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今週のキーワード

NILとQDの攻防
半導体・ディスプレイの未来を再定義

25
件

記事数

13
カ国

対象国

1300
ニト

QD輝度

2
nm

NIL対応

今週の全25記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
QD-OLED Penta
Tandem

新製品
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

サムスンディスプレイがPenta Tandem技術でQD-OL
EDパネルをアップグレード。輝度1300ニト、寿命2
倍、320Hzを実現し製品化。

#02
サムスン次世代Odyss
ey

製品紹介
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

サムスンがPenta Tandem QD-OLED採用の次世代ゲ
ーミングモニターと業界初の6Kゲーミングモニターを
発表。

#03 フジクラImpCarv 学術論文
●●●●

●
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

●

フジクラとMITがNature Photonics誌で高効率三次元
ナノ加工技術「ImpCarv」を発表。ナノメートル構造
を効率的に形成。

#04 OCSiAl新型SWCNT 新材料
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

OCSiAlが高性能電極および次世代バッテリー化学向け
新型単層カーボンナノチューブ製品を発表。EV・ESS
性能向上に貢献。

#05 CNT導電助剤研究 学術論文
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

リチウムイオン電池アノード性能向上にCNT導電助剤
の有効性を研究。バインダーとの最適化で安定性と容
量が向上。

#06
LNPドラッグデリバリ
ー

学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○

癌治療における脂質ナノ粒子（LNP）ドラッグデリバ
リーシステムの進歩をレビュー。標的型治療と毒性低
減の可能性。

#07 siRNAナノ粒子送達 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○

癌治療におけるsiRNAナノ粒子送達戦略と臨床試験の
進展をレビュー。LNPなど多様なナノキャリアで効果
改善。

#08 サブ10nmナノ加工 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

ブロック共重合体のナノインプリント指向性自己組織
化でサブ10nmナノ加工を実現。低コストで高精度な
パターン形成。

#09
POSTECHメタサーフ
ェス

学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○

POSTECHチームがナノインプリントリソグラフィで
メタサーフェス製造のブレークスルー。EBLに匹敵す
る効率で量産へ。

#10 鉛フリーQDガラス 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○

中国計量大学が安定性と環境親和性に優れた鉛フリー
量子ドット（QD）ガラスを開発。ディスプレイ・照
明技術へ応用。

#11 ナノ材料職場暴露 解説記事
●○○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○

エンジニアードナノ材料の職場暴露経路、リスク評価
、規制に関するレビュー。吸入暴露が主要な懸念事項
。

#12 ナノ技術標準化 市場概観
●○○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
ナノテクノロジーの標準化が技術進歩と商業化に与え
る影響を論じる。ISO TC 229の役割を強調。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#13 CNTインク回路印刷 技術デモ
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○

OCSiAlがTUBALL™グラフェンナノチューブを含む導
電性インクで電子回路印刷をデモンストレーション。
フレキシブルエレクトロニクスへ。

#14 JST俯瞰報告書2026 市場概観
●○○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

●

JSTが日本のナノテクノロジー・材料分野の研究開発
俯瞰報告書2026年版を発表。国家戦略と国際競争力
を分析。

#16
ペロブスカイトQD展
望

解説記事
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○

次世代ディスプレイ向けペロブスカイト量子ドット（
PQD）の最新進歩と展望をレビュー。安定性改善と応
用を詳述。

#17 量子ドット市場2026 市場レポ
ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●○
○

●●●○
○

量子ドット（QD）市場2026年版レポート概要。ディ
スプレイ性能向上と色精度、多様な応用分野での成長
を予測。

#18 NILシステム市場2026 市場レポ
ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

ナノインプリントリソグラフィ（NIL）システム市場
レポート2026年版。政府のインセンティブとパート
ナーシップが成長を牽引。

#19 NILはEUVに匹敵せず 技術比較
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

●

ナノインプリントリソグラフィ（NIL）はEUVにすぐ
には匹敵しないと分析。コストとスループットの現実
的課題を指摘。

#20
キヤノンNIL大規模投
資

企業戦略
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

●

キヤノンがナノインプリント技術に500億円を投じ新
工場建設。2nmプロセス対応でASMLのEUVに対抗を
目指す。

#21 2D材料展望2026 市場概観
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

2D材料（グラフェン、MoS2、h-BN、MXenes）のイ
ノベーションと特許動向を分析。次世代デバイスへの
応用。

#24
NIL非線形フォトニク
ス

学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●○○

○

直接ナノインプリントリソグラフィを用いた非線形フ
ォトニクスの実現。スケーラブルで費用対効果の高い
製造方法を提案。

#25 LNPセラノスティクス 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○

癌治療用薬剤送達システムとしての脂質ベースナノ粒
子（LNP）セラノスティクスの進歩をレビュー。診断
と治療を統合。

#26 PQD概要と応用 解説記事
●●○○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○

ペロブスカイト量子ドット（PQD）の基本概要と応用
を解説。優れた光学特性とディスプレイ・太陽電池へ
の適合性。

#28
キヤノンNILロードマ
ップ

企業戦略
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●●

●

キヤノンのナノインプリントリソグラフィ（NIL）ロ
ードマップ2015-2026を解説。J-FIL技術で2nmノー
ドを目指す。

#29 NILの多様な応用 解説記事
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

ナノインプリントリソグラフィ（NIL）のAR、3Dセ
ンシング、バイオテクノロジーなど多様な応用可能性
を探る。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ キヤノンのNILは半導体製造のゲームチェンジャーとなるか？
キヤノンがナノインプリントリソグラフィ（NIL）に500億円を投じ、2nmプロセス対応の新工場を建設します。EUVの1
/10のコストと消費電力で同等性能を実現できると主張していますが、マスク耐久性や欠陥管理の課題は依然として残り
ます。自社の半導体設計や製造戦略にNILをどう位置づけるべきか、その潜在能力と現実的な課題を再評価する時期に来
ています。

❷ QDディスプレイの進化は、日本の材料・部品メーカーに何をもたらすか？
サムスンディスプレイがQD-OLEDにPenta Tandem技術を導入し、輝度1300ニト、寿命2倍を実現。中国計量大学は鉛
フリーQDガラスを開発するなど、QD技術は高性能化と環境対応を両立し、ディスプレイ市場を牽引しています。日本の
材料メーカーは、このQD技術の進化に対し、どのような高機能材料や製造プロセスで差別化を図り、サプライチェーンで
の優位性を確立できるでしょうか？

❸ ナノ医療の進展は、日本の製薬・医療機器産業に新たな機会を創出するか？
脂質ナノ粒子（LNP）やsiRNAナノ粒子を用いた癌治療ドラッグデリバリーシステム（DDS）の研究が進展し、臨床試験
段階に入っています。診断と治療を統合するセラノスティクスも注目されており、個別化医療の実現が期待されます。日
本の製薬企業や医療機器メーカーは、このナノ医療の波に乗り遅れないよう、どのような技術提携やR&D;戦略を推進すべ
きでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

NIL半導体QDディスプレイナノ加工 CNT応用

癌治療LNP 鉛フリーQD
2D材料

ナノ安全

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● NIL半導体 注意 低コストで2nm級製造 EUVとの競争激化

● QDディスプレイ 注意 高性能ディスプレイ需要 韓国勢の技術先行

● ナノ加工 機会大 新デバイス製造加速 技術習得の難易度

● CNT応用 機会大 バッテリー性能向上 材料供給の安定性
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● 癌治療LNP 機会大 癌治療の効率化 規制と安全性評価

● 鉛フリーQD 機会大 環境規制対応製品 性能とコストの両立

● 2D材料 機会大 新規材料市場開拓 製造技術の確立

● ナノ安全 脅威大 信頼性向上 規制対応コスト増
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深掘り ① ― キヤノン、NILで半導体市場に挑む
#20 | 日付不明 | Move Silicon | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●● データ信頼性●●●●○
日本関連度●●●●●

キヤノンが栃木県宇都宮市に500億円を投じ、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）装置の新工場を建設すると発表
しました。これは、リソグラフィシステムの生産能力を3倍に高め、同社のNIL技術をASMLのEUV技術に対抗する戦略
的な動きです。新工場は2025年9月に稼働開始、2027年までにフル稼働予定で、2nmプロセスノードのチップをEUV
より低コスト・低消費電力で製造可能と主張しています。

NILは、マスターモールドを直接転写するため、光の回折限界に制約されず、原理的に微細なパターン形成が可能です
。キヤノンのJ-FIL技術は、液滴塗布とUV硬化を組み合わせることで、マスク摩耗や欠陥のリスクを低減する工夫が施
されています。特にNANDフラッシュメモリや特定のロジックチップなど、繰り返しパターンの多いデバイスでの競争
力強化を目指します。

▶ 技術者の視点

キヤノンのNILへの大規模投資は、半導体製造装置市場における日本の存在感を再強化する重要な一手
です。EUVと比較して装置コストと運用コストが1/10という主張は非常に魅力的ですが、実用化にはマ
スクの耐久性、欠陥管理、そして大規模生産における歩留まりの安定化が依然として大きな課題です。
特に、多層配線を持つロジックチップへの適用には、オーバーレイ精度のさらなる向上が不可欠でしょ
う。日本の材料メーカーにとっては、NIL用レジストやモールド材料、欠陥検査装置など、新たなサプ
ライチェーンでの機会が生まれます。一方で、半導体メーカーは、EUVとNILの技術特性を理解し、最
適なプロセスノードとデバイスタイプを見極める必要があります。キヤノンが主張する2nmノード対応
がどこまで現実的か、今後の実証データと顧客獲得状況を注視すべきです。

深掘り ② ― フジクラ、高効率三次元ナノ加工技術「ImpCarv」
#03 | 2026/05/13 | 株式会社フジクラのプレスリリース | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●○○
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●●

フジクラはマサチューセッツ工科大学（MIT）との共同研究で、三次元ナノ加工技術「Implosion Carving
(ImpCarv)」をNature Photonics誌に発表しました。この技術は、高分子材料を精密な集光スポットで彫刻し、ナノメ
ートルサイズの複雑な三次元構造を効率的に形成します。単一マトリックス内に複数の機能要素を持つデバイス製造を
可能にし、生産効率の大幅な向上に寄与します。

ImpCarvは、液浸環境下で高分子ゲルをレーザーで収縮させ、化学処理で不要部分を除去するプロセスです。高精細な
三次元加工、高効率な製造、多機能デバイスの統合が可能で、マイクロレンズアレイ、微細流体デバイス、バイオセン
サー、光通信用導波路など、多岐にわたるナノデバイスへの応用が期待されます。

▶ 技術者の視点

フジクラとMITによるImpCarv技術は、ナノ加工分野における学術的ブレークスルーであり、その技術
新規性は非常に高いです。特に、単一プロセスで複雑な三次元ナノ構造を形成できる点は、従来の多段
階プロセスと比較して製造効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。しかし、実用化距離はまだ
応用研究段階であり、製品化までには3〜5年を要すると見られます。高分子材料の選択肢、加工可能な
材料の多様性、大規模生産へのスケーラビリティ、そして欠陥制御の確立が今後の課題となるでしょう
。日本の材料メーカーやデバイスメーカーにとっては、この技術を早期に評価し、自社の新製品開発や
製造プロセスへの導入可能性を探る大きな機会となります。特に医療、エレクトロニクス、光学分野で
の応用を見据え、共同研究やライセンス供与の検討を始めるべきです。
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深掘り ③ ― QD-OLED、Penta Tandemで性能飛躍
#01 | 2026/05/22 | FlatpanelsHD | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●○○

サムスンディスプレイは、27インチ1440p QD-OLEDパネルに最新のPenta Tandem技術を導入しました。この新技術
は、MSIのゲーミングモニターに採用され、リフレッシュレート320Hz、ピーク輝度1300ニト、パネル寿命2倍を実現
しています。さらに、「QuantumBlack」フィルムの導入により、周囲光の処理能力と傷耐性も向上しました。

Penta Tandem技術は、複数の発光層を積層することで光変換効率と耐久性を大幅に向上させるものです。これにより
、OLEDの課題であった輝度と寿命を克服し、ハイエンドゲーミングやプロフェッショナル用途でのQD-OLEDの優位性
を確立します。今後、大画面化や多様なフォームファクタへの展開が期待されます。

▶ 技術者の視点

サムスンディスプレイのPenta Tandem技術は、QD-OLEDの性能を既存のOLEDやLCDに対して決定的
に優位にする可能性を秘めています。特に、ピーク輝度1300ニトと寿命2倍という数値は、HDRコンテ
ンツの表現力と製品の信頼性を大幅に向上させ、消費者の購買意欲を刺激するでしょう。既に製品化さ
れている点から、実用化距離は極めて短いです。日本のディスプレイパネルメーカーにとっては脅威で
すが、QD材料、有機EL材料、封止材、光学フィルムなどのサプライヤーにとっては、この高性能化に
対応した新材料開発の大きな機会となります。特に、QuantumBlackフィルムのような周辺技術の進化
も重要であり、日本の高機能フィルムメーカーは、このトレンドを注視し、次世代QD-OLED向け材料
の開発を加速すべきです。また、QD-OLEDの普及は、関連する検査装置や製造装置の需要も高めるた
め、装置メーカーも機会を捉える必要があります。

その他の注目記事
OCSiAl、高性能電極および次世代バッテリー化学向け新型単層カーボンナノチューブ製品を発表 (OCSiAl)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

EV・ESS向けバッテリー性能向上に貢献する新型SWCNT製品。日本のバッテリー材料メーカーは競合動向を注視し、
自社材料の優位性を再評価すべき。

癌治療のための脂質ナノ粒子ドラッグデリバリーシステムの翻訳的進歩：現状と将来の展望 (PMC (PubMed Central))
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

癌治療におけるLNPの可能性をレビュー。日本の製薬・医療機器メーカーは、ナノキャリア技術の導入や共同開発を検
討し、個別化医療への貢献を目指すべき。

中国計量大学、鉛フリー量子ドットガラスの開発に成功：安定かつ環境に優しい照明・ディスプレイ技術への道を開く (EurekAlert! (China Jiliang University))
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

環境規制強化に対応する鉛フリーQDガラスは、日本のディスプレイ・照明メーカーにとって重要な技術。環境性能と
光学性能の両立が今後の競争軸となる。

ナノインプリントリソグラフィはEUVにすぐに匹敵しないだろう：コストとスループットの現実 (Bits&Chips;)
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

NILの現実的な課題を指摘。キヤノンの大規模投資と合わせて、NILがEUVの代替ではなく補完技術として、どの市場で
優位性を発揮するか見極めが重要。

2D材料の展望2026：グラフェン、MoS2、h-BN、MXenesにおけるイノベーションと特許動向 (PatSnap Eureka)
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

グラフェン、MoS2など2D材料のイノベーションと特許動向を分析。日本の材料メーカーは、次世代半導体やエネルギ
ー分野での応用機会を模索すべき。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;/経営企画】キヤノンのNIL新工場建設と2nmプロセス対応の発表について、自社の半導体製造戦略への
影響を評価し、競合他社の動向調査を開始する。

• 【ディスプレイ部門】サムスンディスプレイのQD-OLED Penta Tandem技術の詳細（輝度、寿命、Quantum
Blackフィルム）を分析し、自社製品ロードマップへの影響を検討する。

• 【調達/R&D;】OCSiAlの新型SWCNT製品について、サンプル入手可能性と評価計画を立案し、次世代バッテリ
ー材料としての適合性を検証する。

▍短期（1ヶ月）
• 【R&D;/材料部門】フジクラとMITのImpCarv技術に関するNature
Photonics論文を精読し、自社のナノ加工技術や新デバイス開発への応用可能性を検討する。

• 【電池材料部門】鉛フリー量子ドットガラスの開発動向を調査し、自社のQD材料ポートフォリオにおける環境
対応型材料のR&D;戦略を策定する。

• 【医療機器/製薬R&D;】癌治療におけるLNP/siRNAナノ粒子DDSの臨床試験進捗を調査し、共同研究やライセ
ンス導入の可能性を検討する。

▍中長期（四半期〜）
• 【経営企画/R&D;】ナノインプリントリソグラフィ（NIL）がEUVを補完する技術として、どの市場セグメント
で優位性を確立するかを予測し、長期的な設備投資計画や技術提携戦略を策定する。

• 【材料部門】2D材料（グラフェン、MoS2、MXeneなど）の特許動向とイノベーションベクトルを継続的にモ
ニタリングし、次世代エレクトロニクスやエネルギー分野での新規事業機会を探索する。

• 【安全衛生/法務】エンジニアードナノ材料の職場暴露に関する国際的なリスク評価・規制動向を継続的に把握
し、自社のナノ材料取り扱いガイドラインや安全管理体制を定期的に見直す。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-05-23
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サムスンディスプレイ、QD-OLEDパネルに最新Penta
Tandem技術を導入：高速化、高輝度化、長寿命化を実現

概要

サムスンディスプレイは、27インチ1440p QD-OLEDパネルを最新のPenta Tandem技術
でアップグレードしました。この新技術は、MSIの271QPX32モニターに採用されてお
り、リフレッシュレートが320Hzに向上し、輝度が最大1300ニトに増加しました。さ

らに、以前の世代と比較してパネルの寿命が2倍に延長されています。また、
「QuantumBlack」フィルムの導入により、周囲光の処理能力と傷耐性が改善されまし
た。

公開日 2026年05月22日  FlatpanelsHD  デンマーク



詳細

背景：ディスプレイ技術の進化

近年、高性能ディスプレイに対する需要は、ゲーミング、プロフェッショナル用途、エ
ンターテイメント分野で急速に高まっています。特にOLED（有機ELディスプレイ）技
術は、その優れたコントラスト比と色再現性から注目を集めていますが、輝度と寿命に
関する課題が残されていました。サムスンディスプレイは、これらの課題を克服するた
め、量子ドット（QD）技術とOLEDを融合させたQD-OLEDの開発に注力してきました。

主要内容：Penta Tandem技術による性能向上

サムスンディスプレイは、27インチ1440p QD-OLEDパネルの最新世代として、革新的
な「Penta Tandem」技術を導入しました。この技術は、複数の発光層を積層すること
で、全体の光変換効率と耐久性を大幅に向上させるものです。具体的には、以下の顕著
な性能向上が達成されました。

リフレッシュレートの向上：従来の製品から大幅に高速化され、320Hzのリフレッシ
ュレートを実現。これにより、特に動きの速いゲームやビデオコンテンツにおいて、
より滑らかで残像の少ない映像体験を提供します。

ピーク輝度の増加：最大1300ニトという高輝度を達成し、HDRコンテンツの表現力
を強化。これにより、よりリアルで鮮やかな映像表現が可能になります。

製品寿命の延長：パネルの寿命が従来の世代と比較して2倍に延長され、長期的な信
頼性と顧客満足度を向上させます。

QuantumBlackフィルムの採用：新しい「QuantumBlack」フィルムは、周囲の光の
反射を抑え、暗い環境での黒レベルの深さをさらに高めます。また、ディスプレイ表
面の傷耐性も向上させることで、日常使用における耐久性を高めています。

この最新パネルは、すでにMSIの高性能ゲーミングモニター「271QPX32」に採用さ
れ、市場投入が始まっています。



影響と展望：高画質ディスプレイ市場の牽引

Penta Tandem技術の導入は、QD-OLEDディスプレイがゲーミングおよびプロフェッシ
ョナル市場において、競合する他のディスプレイ技術に対して強力な優位性を確立する
上で重要な一歩となります。高リフレッシュレート、高輝度、長寿命という特性は、特
にハイエンドゲーマーやクリエイターにとって魅力的な要素です。また、
QuantumBlackフィルムによる環境光への対応能力向上は、多様な使用環境での視認性
を改善し、より幅広いユーザー層への普及を促進するでしょう。今後は、この技術がさ
らに大画面化や多様なフォームファクタに展開され、次世代ディスプレイ市場の標準を
確立することが期待されます。

元記事: https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1779184635

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1779184635


サムスン、Penta Tandem QD-OLED採用の次世代
Odysseyゲーミングモニターと業界初の6Kゲーミングモニ
ターを発表

概要

サムスンは、最新のOdysseyゲーミングモニターラインアップを発表しました。これに

は、27インチと32インチのOdyssey OLED G8 (G80SH) モデルが含まれ、4K解像度と
240HzのリフレッシュレートOLEDパネルを特徴としています。これらのモニターは
QD-OLED Penta Tandem技術を採用しており、効率性、耐久性、輝度が向上し、VESA

DisplayHDR™ True Black 500認証も取得しています。さらに、サムスンは業界初の6K

ゲーミングモニター（165Hzリフレッシュレート）や他のW-OLEDおよびIPSオプショ
ンも披露しました。

公開日 2026年05月19日  Samsung  韓国



詳細

背景：ゲーミングディスプレイ技術の進化と市場の要求

今日のゲーミング市場では、没入感の高い体験を追求するため、高解像度、高リフレッ
シュレート、優れた色再現性を備えたディスプレイが不可欠となっています。特にハイ
エンドゲーマーやプロフェッショナルコンテンツクリエーターは、最高のパフォーマン
スと視覚品質を求め、ディスプレイ技術の革新が常に期待されています。サムスンは、
この市場の要求に応えるため、最先端のQD-OLED技術をゲーミングモニターに導入
し、新たな標準を確立しようとしています。

主要内容：Penta Tandem技術と画期的な新モデルの発表

サムスンは、次世代のOdysseyゲーミングモニターおよびViewFinityモニターのラインア
ップを発表しました。この発表の目玉は、特に注目されるOdyssey OLED G8 (G80SH) モ
デルで、27インチと32インチのサイズが用意されています。これらのモデルは、4K解
像度と240Hzのリフレッシュレートを持つOLEDパネルを搭載し、サムスンディスプレイ
の最新技術であるQD-OLED Penta Tandem技術を採用しています。Penta Tandem技術
は、OLEDの効率性、耐久性、そして輝度を飛躍的に向上させることで知られ、
DisplayHDR™ True Black 500認証を取得していることから、深い黒レベルと優れたHDR
性能を保証します。

さらに、今回の発表では以下の画期的な製品も含まれています。

業界初の6Kゲーミングモニター：165Hzのリフレッシュレートを備えた6K解像度の
ゲーミングモニターは、比類ない詳細さと滑らかさを提供し、超高精細ゲーミングの
新たな時代を切り開きます。

多様なパネル技術の選択肢：QD-OLEDに加えて、W-OLEDやIPS技術を採用したモニ
ターも提供され、ユーザーは用途や予算に応じて最適なディスプレイを選択できるよ
うになります。



影響と展望：ハイエンドゲーミング市場の再定義と新たなアプリケーション

サムスンのPenta Tandem技術を搭載したQD-OLEDゲーミングモニターは、ゲーミング
ディスプレイの性能基準を再定義する可能性を秘めています。高解像度、高リフレッシ
ュレート、優れたHDR性能、そして向上した耐久性は、ゲーマーにとって最高の視覚体
験を提供します。特に6Kゲーミングモニターの登場は、コンテンツクリエーターやプロ
フェッショナルにとっても非常に大きな意味を持ち、ゲーム開発、3Dモデリング、ビデ
オ編集などの分野で新たな可能性を拓きます。

また、これらの技術革新は、単にゲーミング市場に留まらず、広範なアプリケーション
への波及効果が期待されます。例えば、メタバースやバーチャルリアリティ(VR)/拡張現
実(AR)といった分野では、高精細で低遅延なディスプレイが不可欠であり、サムスンの
新技術はその実現に貢献するでしょう。サムスンは、これらの製品を通じて、ディスプ
レイ技術の最前線に立ち続け、未来のデジタル体験を形作っていくことが予想されま
す。

元記事: https://news.samsung.com/global/samsung-launches-next-gen-odyssey-gaming-and-viewfinity-

monitors-including-industrys-first-6k-gaming-monitor

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://news.samsung.com/global/samsung-launches-next-gen-odyssey-gaming-and-viewfinity-monitors-including-industrys-first-6k-gaming-monitor
https://news.samsung.com/global/samsung-launches-next-gen-odyssey-gaming-and-viewfinity-monitors-including-industrys-first-6k-gaming-monitor


フジクラ、MITと共同で高効率三次元ナノ加工技術
「ImpCarv」を発表

概要

株式会社フジクラは、マサチューセッツ工科大学（MIT）との共同研究により、三次
元ナノ加工技術「Implosion Carving (ImpCarv)」に関する論文をNature Photonics誌に
発表しました。この技術は、高分子材料を精密な集光スポットで彫刻し、ナノメート

ルサイズの複雑な三次元構造を効率的に形成します。単一のマトリックス内に複数の
機能要素を持つ複雑なデバイスの製造を可能にし、生産効率の大幅な向上に寄与する
と期待されています。

公開日 2026年05月13日  株式会社フジクラのプレスリリース  日本



詳細

背景：ナノ加工技術の重要性と課題

近年、ナノテクノロジーの進展に伴い、医療、エレクトロニクス、光学デバイスなどの
分野で、ナノメートルスケールの精密な三次元構造を持つデバイスの需要が高まってい
ます。しかし、従来のナノ加工技術では、複雑な三次元構造を効率的かつ高精度に製造
することが難しく、多段階のプロセスや高コストが課題となっていました。特に、機能
性材料を三次元的に配置し、複数の要素を統合する技術は、次世代デバイス開発におい
て不可欠です。

主要内容：Implosion Carving (ImpCarv) 技術の画期性

株式会社フジクラとマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究チームは、この課題を克
服するため、新たな三次元ナノ加工技術「Implosion Carving (ImpCarv)」を開発し、そ
の成果を科学誌Nature Photonicsに発表しました。ImpCarvは、特定の高分子材料（ポ
リマー）内部に、集光されたレーザー光を用いることで、ナノメートルサイズの構造を
精密に「彫刻」する技術です。このプロセスは、液浸環境下で高分子ゲルをレーザーに
よって収縮させ、その後化学処理により不要な部分を除去することで、極めて微細な三
次元構造を作り出します。

本技術の主な特徴は以下の通りです。

高精細な三次元加工：ナノメートル単位での精密な形状制御が可能であり、複雑な内
部構造や多層構造を容易に形成できます。

高効率な製造：単一のプロセスで複雑な三次元構造を一度に形成できるため、従来の
多段階プロセスと比較して製造効率が大幅に向上します。

多機能デバイスの統合：複数の異なる機能を持つナノメートルサイズの要素を一つの
材料マトリックス内に統合して作製することが可能となり、デバイスの高性能化と小
型化に貢献します。

この技術により、例えば、マイクロレンズアレイ、微細流体デバイス、バイオセンサ
ー、さらには光通信用の導波路構造など、多岐にわたるナノデバイスの製造応用が期待
されます。



影響と展望：次世代ナノデバイス開発への貢献

ImpCarv技術は、現在のナノ加工技術の限界を突破し、次世代の革新的なナノデバイス
開発を加速させる可能性を秘めています。特に、単一プロセスで複雑な三次元構造を効
率的に作製できる点は、医療診断用の高感度センサーや、光集積回路、さらには人工知
能（AI）ハードウェアの高性能化に大きく寄与するでしょう。この技術がさらに発展す
ることで、ナノロボットや薬剤送達システムといった、より高度なバイオ・医療分野へ
の応用も視野に入ってきます。フジクラとMITの共同研究は、ナノテクノロジー分野に
おける国際的な連携の重要性を示し、学術と産業界の協力によって新たな技術革新が生
まれる好例と言えます。

元記事: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000056990.html

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000056990.html


OCSiAl、高性能電極および次世代バッテリー化学向け新
型単層カーボンナノチューブ製品を発表

概要

OCSiAlは、高性能電極および新興バッテリー化学技術向けに設計された新型単層カー
ボンナノチューブ（SWCNT）製品群を発表しました。この開発は、電気自動車（EV）
やエネルギー貯蔵システム（ESS）におけるバッテリー性能を大幅に向上させることを

目指しています。OCSiAlは、SWCNT技術の世界的なリーダーであり、ナノチューブソ
リューションの主要サプライヤーとして知られています。

公開日 2026年04月28日  OCSiAl  ルクセンブルク



詳細

背景：バッテリー性能向上への要求とナノ材料の役割

電気自動車（EV）の普及や再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、高性能かつ長寿命な
バッテリーへの需要が世界的に高まっています。特に、リチウムイオンバッテリーのエ
ネルギー密度、充電速度、サイクル寿命の向上は喫緊の課題であり、その解決策の一つ
としてナノ材料の応用が注目されています。単層カーボンナノチューブ（SWCNT）
は、その優れた電気伝導性、高いアスペクト比、機械的強度から、バッテリー電極の導
電助剤として非常に有望視されています。

主要内容：OCSiAlによる新型SWCNT製品の発表

単層カーボンナノチューブ技術の世界的リーダーであるOCSiAlは、高性能電極および次
世代バッテリー化学技術向けに特化した新型SWCNT製品群を発表しました。この新し
いナノチューブは、特に以下の点を改善することを目指しています。

電極性能の最大化：SWCNTは、電極材料の導電ネットワークを効率的に構築し、電
子移動を促進することで、バッテリーの内部抵抗を低減し、出力密度を向上させま
す。これにより、EVの加速性能や急速充電能力の向上が期待されます。

新興バッテリー化学への対応：リチウム硫黄電池や全固体電池など、今後の普及が期
待される新興バッテリー化学技術は、電極材料の特性が大きく異なります。OCSiAl

の新型SWCNTは、これらの特殊な要求にも対応できるよう設計されており、次世代
バッテリー開発を支援します。

配合の最適化：従来、高濃度でのナノチューブ分散は困難でしたが、OCSiAlは特殊
な製造プロセスと分散技術により、高性能を維持しつつ安定的に電極材料に組み込め
るSWCNTを提供します。

OCSiAlは、これまでもTUBALL™という商標で多様な産業分野にナノチューブソリューシ
ョンを提供しており、今回の新製品は同社のポートフォリオをさらに強化するもので
す。



影響と展望：EVおよびエネルギー貯蔵分野への貢献

OCSiAlの新型SWCNT製品の導入は、電気自動車の航続距離延長、充電時間の短縮、バ
ッテリー寿命の向上に直接的に貢献し、EV市場のさらなる成長を後押しするでしょう。
また、大規模エネルギー貯蔵システム（ESS）においては、再生可能エネルギーの安定
供給に不可欠な高効率・長寿命バッテリーの実現を支援します。この技術は、バッテリ
ー産業全体のイノベーションを加速させ、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩と
なります。今後、SWCNTが標準的な導電助剤としてより広範なバッテリーに採用され
ることで、製造コストの低減と性能のさらなる最適化が進むと予想されます。

元記事: https://ocsial.com/press-room/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://ocsial.com/press-room/


リチウムイオン電池アノード性能を向上させるカーボンナ
ノチューブ導電助剤の研究

概要

この研究は、リチウムイオン電池のアノードにおける電気化学的性能を向上させるた
めに、カーボンナノチューブ（CNT）を導電助剤として使用した場合の影響を調査し
ています。CMC/SBRやPAA/PAM系ポリマーなど、様々なバインダーを検討し、CNTの

最適な統合方法を模索しました。結果として、CNTはバッテリーセルの電気化学的安
定性と放電容量を向上させることが示されましたが、製造時にはより希釈された配合
が必要となる可能性も指摘されています。

公開日 日付不明  POLITesi (Politecnico di Torino)  イタリア



詳細

背景：リチウムイオン電池性能向上の課題

リチウムイオン電池は、電気自動車や携帯型電子機器の主要な電源として広く普及して
いますが、さらなるエネルギー密度、急速充電能力、サイクル寿命の向上が求められて
います。特に、負極（アノード）の性能は電池全体の特性に大きく影響し、その改善に
は導電助剤の最適化が重要な鍵となります。従来の導電助剤であるカーボンブラックな
どには限界があり、より効率的な導電パスを形成できる新規材料の探求が続いていま
す。

主要内容：カーボンナノチューブによるアノード性能向上

トリノ工科大学の研究は、カーボンナノチューブ（CNT）をリチウムイオン電池のアノ
ードに導電助剤として導入することで、電気化学的性能をどのように改善できるかを詳
細に検討しました。この研究では、特にバインダーの種類がCNTの分散と機能性に与え
る影響に焦点を当てています。具体的には、CMC/SBR（カルボキシメチルセルロース/

スチレン・ブタジエンゴム）およびPAA/PAM（ポリアクリル酸/ポリアクリルアミド）
ベースのポリマーバインダーシステムが評価されました。

主な研究成果は以下の通りです。

電気化学的安定性の向上：CNTを添加したアノードは、繰り返しの充放電サイクルに
おいてより高い電気化学的安定性を示しました。これは、CNTが活物質粒子間に堅牢
な導電ネットワークを形成し、電子の移動を効率化するためと考えられます。

放電容量の増加：CNTの最適な配合により、バッテリーセルの放電容量が向上するこ
とが確認されました。これにより、同体積・重量でのバッテリーのエネルギー貯蔵能
力を高めることができます。

バインダーの影響：様々なバインダーの評価から、CNTの電極への統合において、バ
インダーの種類と配合がCNTの分散状態や電極の物理的特性に大きく影響することが
示されました。特に、特定の高分子バインダーはCNTの凝集を抑制し、均一な分散を
促すことで、電極性能の最大化に貢献します。

製造上の課題：一方で、CNTを高濃度で電極スラリーに分散させることの難しさも指
摘されています。最適な性能を得るためには、製造プロセスにおいてCNTをより希釈
した状態で組み込むことが推奨される可能性があります。



影響と展望：次世代バッテリー開発への寄与

この研究は、カーボンナノチューブがリチウムイオン電池のアノード性能を飛躍的に向
上させる可能性を改めて示しました。CNTの活用は、電気自動車の航続距離延長や、ポ
ータブル電子機器の長時間駆動、そして大規模エネルギー貯蔵システムの効率化に直結
します。特に、特定のバインダーシステムとの組み合わせによるCNTの最適な統合戦略
は、次世代バッテリーの設計において重要な指針となります。今後、CNTの均一分散技
術のさらなる進展と、製造プロセスの最適化により、CNTを導電助剤として利用した高
性能リチウムイオン電池の普及が加速することが期待されます。これは、持続可能なエ
ネルギー社会の実現に向けた重要な技術的進歩と言えるでしょう。

元記事: https://www.politesi.polimi.it/retrieve/54ee5052-5e72-41fe-bb06-

3da676da3e78/2024_10_Cocco_Tesi.pdf

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.politesi.polimi.it/retrieve/54ee5052-5e72-41fe-bb06-3da676da3e78/2024_10_Cocco_Tesi.pdf
https://www.politesi.polimi.it/retrieve/54ee5052-5e72-41fe-bb06-3da676da3e78/2024_10_Cocco_Tesi.pdf


癌治療のための脂質ナノ粒子ドラッグデリバリーシステム
の翻訳的進歩：現状と将来の展望

概要

このレビュー記事は、癌治療および診断における適応性の高いナノキャリアシステム
としての脂質ナノ粒子（LNP）を詳細に調査しています。LNPは、その構造的柔軟性、
生体適合性、多様な治療薬の封入能力により、効果を高め、毒性を低減した標的型癌

治療を可能にします。記事では、リガンドを介したターゲティング、応答性放出シス
テム、多機能LNPの最新の進歩について議論し、前臨床および臨床試験の現状を概説
しています。

公開日 日付不明  PMC (PubMed Central)  国際



詳細

背景：癌治療における薬剤送達の課題

癌治療は、依然として世界中の公衆衛生における主要な課題の一つです。従来の化学療
法は非選択的であり、健康な細胞にも影響を与え、重篤な副作用を引き起こす可能性が
あります。分子標的薬や遺伝子治療薬の登場により、より特異的な治療法が期待されて
いますが、これらの薬剤の体内での安定性、腫瘍組織への効率的な送達、細胞内への取
り込みは依然として大きな課題です。こうした背景から、ナノテクノロジーを用いた薬
剤送達システム（DDS）が、治療効果の向上と副作用の軽減を目指して活発に研究され
ています。

主要内容：脂質ナノ粒子の翻訳的進歩

本レビュー記事は、癌治療のための脂質ナノ粒子（LNP）ベースの薬剤送達システムの
翻訳的進歩に焦点を当てています。LNPは、mRNAワクチンにおける成功によりその有
効性が広く認識されていますが、癌治療においてもその可能性が探求されています。
LNPが持つ主な利点と進歩は以下の通りです。

構造的柔軟性：LNPは、脂質の組成や構造を調整することで、様々なタイプの治療薬
（低分子薬、核酸、タンパク質など）を効率的に封入できます。

生体適合性と安全性：天然の脂質成分に基づくため、生体適合性が高く、免疫原性や
毒性が比較的低いとされています。

標的送達の強化：LNPの表面を特定のリガンド（抗体、ペプチド、アプタマーなど）
で修飾することで、癌細胞への特異的なターゲティングが可能になります。これによ
り、薬剤の腫瘍内濃度を高め、全身毒性を低減できます。

応答性放出システム：pH、温度、酵素活性、光などの外部刺激に応答して薬剤を放
出するLNPの開発が進んでいます。これにより、腫瘍微小環境に特異的な薬剤放出が
可能となり、治療効果の最大化が期待されます。

多機能LNP：診断機能（イメージング剤の封入）と治療機能（薬剤封入）を併せ持つ
「セラノスティック」LNPの研究も進められており、リアルタイムでの治療モニタリ
ングと個別化医療の実現に貢献します。

レビューでは、これらのLNPが前臨床研究で優れた結果を示し、一部は臨床試験の段階
に進んでいることが強調されています。これには、siRNAやmRNAを用いた遺伝子治
療、低分子化学療法の標的送達などが含まれます。



影響と展望：癌治療の未来を形作るLNP

脂質ナノ粒子は、癌治療における薬剤送達のパラダイムを変革する可能性を秘めていま
す。その最大の利点は、薬剤の安定性を高め、生体内での分布を改善し、腫瘍への特異
的な送達を可能にすることで、治療効果を最大化し、副作用を最小限に抑える点にあり
ます。特に、遺伝子治療薬（siRNAやmRNA）の送達におけるLNPの成功は、この技術
が癌免疫療法や個別化医療において中心的な役割を果たすことを示唆しています。

今後の展望としては、LNPのさらなる最適化、スケールアップ製造の課題克服、多様な
癌種に対する臨床応用範囲の拡大が挙げられます。また、人工知能（AI）を用いたLNP

設計や、他のナノ材料との複合化により、より高度な機能性を持つLNPの開発が進むで
しょう。これにより、LNPは次世代の癌治療戦略の基盤技術として、患者の治療成績と
生活品質の向上に大きく貢献することが期待されます。

元記事: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12567512/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12567512/


癌治療におけるsiRNAナノ粒子送達戦略と臨床試験の進展

概要

このレビューは、癌治療におけるsiRNAナノ粒子送達の戦略と臨床試験の進展について
論じています。ナノテクノロジーは、siRNA送達効率を改善し、細胞外バリアを克服す

ることでオフターゲット効果を低減する技術的アプローチを提供します。論文では、
脂質ナノ粒子、高分子ナノ粒子、無機ナノ粒子、ハイブリッドナノ粒子、および複合
体-siRNA送達システムを含む様々なsiRNAナノ送達システムを図解し、癌治療のため

の臨床試験を紹介しています。

公開日 2026年03月26日  MDPI  スイス



詳細

背景：癌治療におけるsiRNAの可能性と送達の課題

低分子干渉RNA（siRNA）は、特定の遺伝子の発現を抑制する能力を持つことで、癌治
療における革新的な治療法として大きな期待を集めています。しかし、siRNA分子はヌ
クレアーゼによる分解を受けやすく、負電荷を持つため細胞膜を容易に通過できず、効
果的な全身送達が困難であるという課題があります。これらの課題を克服し、siRNAを
腫瘍組織に特異的に、かつ安定して送達するためには、高度な送達システムが不可欠で
す。

主要内容：siRNAナノ粒子送達システムの進展

本レビュー記事は、癌治療に焦点を当てたsiRNAナノ粒子送達戦略と、その臨床試験に
おける最新の進展を包括的に分析しています。ナノテクノロジーは、siRNAの生体内安
定性を高め、生体バリア（例えば、血流中の酵素や網内系によるクリアランス）を回避
し、腫瘍細胞への標的化を可能にする強力なプラットフォームを提供します。レビュー
では、特に以下の主要なナノ送達システムが紹介されています。

脂質ナノ粒子（LNP）：mRNAワクチンで成功を収めたLNPは、siRNA送達において
も高い生体適合性と効率を示します。その組成を調整することで、様々な癌細胞に特
異的に結合し、siRNAを細胞質内に効果的に送達できます。

高分子ナノ粒子：生体適合性ポリマー（例：ポリエチレングリコール、ポリ乳酸）か
ら作られる高分子ナノ粒子は、siRNAを物理的に保護し、血中滞留時間を延長しま
す。表面修飾により、腫瘍標的化も可能です。

無機ナノ粒子：金ナノ粒子、シリカナノ粒子、酸化鉄ナノ粒子などがsiRNAキャリア
として研究されています。これらは高い安定性と、診断機能（イメージング）を兼ね
備えることができる利点があります。

ハイブリッドナノ粒子：複数の材料（例：脂質と高分子、または無機材料と生体分
子）を組み合わせることで、各成分の利点を相乗的に活用し、送達効率と特異性をさ
らに高めます。

複合体-siRNA送達システム：siRNAを直接、特定のペプチド、アプタマー、または抗
体と結合させることで、よりシンプルな形で標的細胞に送達するアプローチです。



レビューでは、これらのシステムが前臨床段階から進行し、いくつかのsiRNAナノ粒子
ベースの薬剤が、固形癌や血液癌を対象とした臨床試験において有望な結果を示してい
ることが詳述されています。これには、癌遺伝子の発現抑制や、薬剤耐性の克服を目指
すものが含まれます。

影響と展望：癌治療のブレークスルーとしてのsiRNAナノ粒子

siRNAナノ粒子送達システムは、癌治療の未来において極めて重要な役割を果たすと期
待されています。これらのシステムは、薬剤の安定性を高め、腫瘍への特異的な送達を
可能にすることで、治療効果を向上させ、全身性の副作用を大幅に低減する可能性があ
ります。特に、癌幹細胞の標的化、免疫チェックポイント阻害剤との併用療法、薬剤耐
性メカニズムの克服など、従来の治療法では困難だった課題への新たなアプローチを提
供します。

今後の展望としては、さらなる送達効率の最適化、生体内での安全性プロファイルの確
立、そして大規模生産技術の確立が課題となります。人工知能（AI）や機械学習の導入
により、最適なナノキャリア設計が加速されることも期待されます。siRNAナノ粒子技
術の進展は、癌の個別化医療を推進し、患者の予後を改善するための画期的な治療オプ
ションを提供することに繋がるでしょう。この分野の進歩は、ナノテクノロジーが医療
分野にもたらす大きな影響を示す具体的な事例と言えます。

元記事: https://www.mdpi.com/1422-0067/27/7/3032

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.mdpi.com/1422-0067/27/7/3032


ブロック共重合体のナノインプリント指向性自己組織化に
よるサブ10nmナノ加工技術

概要

この研究は、ブロック共重合体（BCP）のナノインプリント指向性自己組織化（DSA）
を利用して、サブ10nmレベルのナノ加工を実現する技術を実証しています。この手法
では、低コストな光学リソグラフィで作製されたナノインプリントモールドを使用

し、高価な基板事前パターニングなしに、BCPの自己組織化を完全に閉じ込めた状態
で効率的にテンプレート化します。ポリスチレン-ブロック-ポリジメチルシロキサン
（PS-b-PDMS）を用いたこの方法は、プラズマエッチングを通じて基板へナノパター

ンを正常に転写することに成功しました。

公開日 日付不明  National Open Access Monitor, Ireland  アイルランド



詳細

背景：高精度ナノ構造製造の需要と課題

現代のマイクロエレクトロニクス、フォトニクス、バイオテクノロジー分野では、サブ
10ナノメートル（nm）レベルの極めて微細なパターンを効率的かつ低コストで製造す
る技術が不可欠です。しかし、従来のフォトリソグラフィや電子ビームリソグラフィ
（EBL）は、このレベルの解像度を実現するために非常に高価で複雑な装置を必要と
し、スループット（生産速度）にも課題があります。特に、自己組織化材料であるブロ
ック共重合体（BCP）の活用は、ナノスケールでのパターン形成において有望ですが、
その配向制御と大規模な欠陥のないパターニングは技術的な挑戦でした。

主要内容：ナノインプリントDSAによるサブ10nmナノ加工

アイルランド国立オープンアクセスモニターで紹介された研究は、ブロック共重合体
（BCP）のナノインプリント指向性自己組織化（DSA）を組み合わせることで、サブ
10nmレベルのナノ加工を実証したものです。この革新的な手法は、BCPの自己組織化
能力と、外部からパターンを導入するナノインプリントリソグラフィ（NIL）の利点を
融合させています。

この技術の主な特徴は以下の通りです。

低コストなモールドの活用：高価なEBLではなく、既存の低コストな光学リソグラフ
ィによって作製されたナノインプリントモールドを使用します。これにより、初期投
資と運用コストを大幅に削減できます。

完全な閉じ込め状態での自己組織化：ナノインプリントモールドがBCPの自己組織化
プロセスを「完全な閉じ込め状態」でガイドします。これにより、基板の事前の化学
的パターニング（高価で複雑な工程）が不要となり、BCPが目的のナノパターンへと
確実に配向するよう誘導されます。

高解像度と欠陥低減：BCPが持つ固有のナノスケールパターン形成能力を最大限に引
き出し、サブ10nmという極めて高い解像度でのパターン作製を可能にします。外部
モールドによるガイドは、従来のBCP自己組織化で問題となる欠陥の発生を大幅に抑
制します。



パターン転写：この研究では、特にポリスチレン-ブロック-ポリジメチルシロキサン
（PS-b-PDMS）という種類のBCPを用いています。BCPが形成したナノパターンは、
その後プラズマエッチング技術を用いて下層の基板へと正確に転写されることが成功
裏に示されました。

影響と展望：次世代半導体製造とデバイス開発への貢献

このナノインプリントDSA技術は、次世代の半導体製造プロセスにおいて、コスト効率
とスループットを劇的に向上させる可能性を秘めています。特に、メモリデバイスやロ
ジックデバイスの微細化が限界に近づく中で、EUVリソグラフィなどの超高価な技術に
代わる、あるいはそれを補完する新たな選択肢を提供します。サブ10nmのパターン形
成能力は、より高性能なトランジスタ、高密度なデータストレージ、そして革新的なフ
ォトニックデバイスやバイオセンサーの実現に貢献するでしょう。

また、この技術は、柔軟な電子デバイスやウェアラブルセンサーなど、新たな応用分野
でのナノ構造製造の障壁を下げる可能性もあります。今後、材料科学とプロセス技術の
さらなる最適化により、ナノインプリントDSAは、ナノテクノロジーが社会にもたらす
恩恵を加速させる重要な基盤技術となることが期待されます。

元記事: https://oamonitor.ireland.openaire.eu/national/search/publication?pid=10.1021%2Fnn201391d

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://oamonitor.ireland.openaire.eu/national/search/publication?pid=10.1021%2Fnn201391d


POSTECHチーム、ナノインプリントリソグラフィでメタ
サーフェス製造のブレークスルー：EBLに匹敵する効率を
実現

概要

浦項工科大学（POSTECH）の研究チームは、従来のメタサーフェス製造の限界を克服
する革新的なナノインプリントリソグラフィ（NIL）戦略を提案しました。Optics and

Photonics Research誌に詳述されたこれらのソリューションは、「低屈折率」という課
題を克服しつつ、電子ビームリソグラフィ（EBL）に匹敵する効率でメタサーフェスの

大規模量産を可能にすることを目指しています。この戦略には、NILと原子層堆積
（ALD）を組み合わせた「ハイブリッド材料法」や粒子埋め込み樹脂の使用が含まれ
ます。

公開日 2025年11月26日  EurekAlert! (Pohang University of Science and Technology

(POSTECH))  韓国



詳細

背景：メタサーフェス技術の可能性と製造の課題

メタサーフェスは、光の波長よりも小さい構造（ナノ構造）を平面上に配置すること
で、光の振幅、位相、偏光を自由に制御できる革新的な光学デバイスです。超薄型レン
ズ、ホログラフィ、ステルス技術、高感度センサーなど、多岐にわたる応用が期待され
ています。しかし、これらのナノ構造を、特に大規模に、高精度かつ効率的に製造する
ことは、極めて大きな課題でした。現在の主要な製造法である電子ビームリソグラフィ
（EBL）は高い精度を持つものの、スループットが低く、製造コストが非常に高いとい
う制約があります。

主要内容：POSTECHによるナノインプリントリソグラフィ（NIL）の革新

浦項工科大学（POSTECH）の研究チームは、メタサーフェスの大規模製造におけるEBL

の課題を克服するため、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）を応用した画期的な戦
略を提案しました。この研究成果は、Optics and Photonics Research誌に発表されてい
ます。

POSTECHチームが提案するNIL戦略は、主に以下の二つの課題解決に焦点を当てていま
す。

1. 大規模量産性の確保：NILは、マスターモールドを繰り返し転写することでナノ構造を
形成するため、EBLに比べてはるかに高いスループットと低コストを実現できます。こ
れにより、メタサーフェスの商業化に向けた大規模生産の道が開かれます。

2. 「低屈折率」問題の克服：多くのメタサーフェスは、高屈折率材料で構成されること
で、効率的な光制御を実現します。しかし、従来のNILで用いられる材料は比較的屈折
率が低いものが多く、光学特性を犠牲にすることなく高品質なメタサーフェスを製造す
ることが課題でした。

この課題を解決するため、研究チームは以下の革新的なアプローチを開発しました。

ハイブリッド材料法：NILプロセスと原子層堆積（ALD）を組み合わせることで、高
屈折率の無機材料（例：TiO2、ZnO）をNILで形成したパターン上に精密に堆積させ
ます。これにより、ナノスケールの精度を保ちつつ、高い光学性能を持つメタサーフ
ェスの製造が可能になります。



粒子埋め込み樹脂の利用：高屈折率のナノ粒子（例：チタン酸バリウムナノ粒子）を
NIL用の樹脂材料に均一に分散させて使用することで、インプリント後の構造自体の
屈折率を高めます。

これらの戦略により、POSTECHチームは、EBLに匹敵する光学性能と効率を持つメタサ
ーフェスを、よりスケーラブルかつ経済的に製造する道筋を示しました。

影響と展望：次世代光学デバイスの商業化加速

POSTECHチームのナノインプリントリソグラフィ戦略は、メタサーフェス技術の商業化
を大きく加速させる可能性を秘めています。EBLの主要な課題であったコストとスルー
プットを克服することで、AR/VRデバイスの軽量・薄型レンズ、次世代スマートフォン
や車載センサーの光学モジュール、さらにはバイオセンシングや医療イメージングとい
った応用分野での普及が現実的になります。

この技術の進展は、製造プロセスの革新を通じて、これまで研究室レベルに留まってい
た革新的な光学素子が、私たちの日常生活に広く浸透する未来を切り開くでしょう。特
に、NILが持つ材料選択の柔軟性と、ALDなどの精密堆積技術との組み合わせは、多様
な機能を持つメタサーフェスの開発を促進し、光学技術の新たなフロンティアを拓くこ
とが期待されます。これにより、韓国が次世代光学デバイス製造において重要な役割を
果たすことが示唆されます。

元記事: https://www.eurekalert.org/news-releases/1107536

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.eurekalert.org/news-releases/1107536


中国計量大学、鉛フリー量子ドットガラスの開発に成功：
安定かつ環境に優しい照明・ディスプレイ技術への道を開
く

概要

中国計量大学の研究者らは、安定性と環境親和性に優れた鉛フリー量子ドット（QD）

ガラスを開発しました。この研究は、従来の鉛ハライドペロブスカイトQDが持つ毒性
と環境不安定性の課題に対処するものです。具体的には、鉛フリーのCsMnBr3 QDを
使用し、Eu3+を導入することで、高い安定性を持つスケーラブルな鉛フリー量子ドッ

トインガラス赤色発光体を実現しました。

公開日 2026年03月27日  EurekAlert! (China Jiliang University)  中国



詳細

背景：量子ドットの可能性と環境・毒性問題

量子ドット（QD）は、その優れた光学的特性（広い励起波長範囲、調整可能な発光
色、狭い半値幅、高発光量子収率）から、次世代ディスプレイ、照明、太陽電池、バイ
オイメージングなど、多くの分野で革新的な応用が期待されています。特に、ペロブス
カイト量子ドット（PQD）は、その優れた発光性能で注目を集めていますが、多くの場
合、鉛やカドミウムといった有毒な重金属を含んでおり、環境や人体への影響が懸念さ
れています。これらの毒性問題と、従来のQDの環境下での不安定性が、広範な商業化
の障壁となっていました。

主要内容：鉛フリーCsMnBr3 QDガラスのブレークスルー

中国計量大学の研究者チームは、これらの課題を解決するため、鉛フリーでかつ安定性
に優れた量子ドットガラスの開発に成功しました。この画期的な研究は、従来の鉛ハラ
イドペロブスカイトQDに代わる、環境に優しい代替材料を提供するものです。

開発された鉛フリーQDガラスの主要な技術的特徴は以下の通りです。

鉛フリー組成：従来の有毒な鉛やカドミウムを含まず、より安全なセシウムマンガン
ブロミド（CsMnBr3）量子ドットを基本材料としています。これは、環境規制の強化
に対応し、持続可能な技術開発に貢献します。

Eu3+の導入による発光制御：CsMnBr3 QDシステムにユーロピウムイオン（Eu3+）
を共導入することで、発光特性の制御と安定性の向上が図られました。Eu3+イオン
は、特定の発光波長を調整し、発光効率を高める役割を果たします。

高い安定性：QDをガラスマトリックス中に封入する「QD-in-glass」構造により、空
気中の水分や酸素、熱に対するQDの安定性が飛躍的に向上します。これにより、長
期間にわたって性能が維持される実用的な製品応用が可能になります。

スケーラブルな製造プロセス：開発されたプロセスは、大規模なガラス製造プロセス
に統合可能であり、商業的な量産に適しています。これにより、コスト効率の良い方
法で鉛フリーQDガラスを生産できます。

優れた赤色発光特性：この鉛フリーQDガラスは、特に鮮やかで純度の高い赤色発光
体として機能し、次世代ディスプレイの色域拡大や高演色性LED照明への応用が期待
されます。



影響と展望：エコフレンドリーなディスプレイ・照明市場の創出

中国計量大学によるこの鉛フリー量子ドットガラスの開発は、ディスプレイおよび照明
産業に大きな影響を与えるものです。毒性のある重金属を使用しないことで、環境負荷
を低減し、製品の安全性と持続可能性を高めます。これにより、消費者向け製品におけ
る量子ドットの採用障壁が下がり、より広範な市場での普及が加速するでしょう。

具体的には、QLEDテレビやスマートフォンなどの高画質ディスプレイでは、より鮮や
かで正確な色再現を実現しつつ、有害物質の含有を抑えることができます。また、高演
色性のLED照明では、健康と環境に配慮した高品質な光源を提供します。この技術は、
将来的に環境規制がさらに厳しくなる中で、ディスプレイ・照明業界における主要な競
争優位性となる可能性があります。鉛フリーQD材料の研究開発は世界中で加速してお
り、この成果は中国がその分野で重要な役割を果たすことを示すものです。

元記事: https://www.eurekalert.org/news-releases/1121686

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.eurekalert.org/news-releases/1121686


エンジニアードナノ材料の職場暴露：経路、リスク評価、
規制に関するレビュー

概要

このレビュー記事は、エンジニアードナノ材料（ENM）の職場暴露経路、リスク評価
戦略、および規制枠組みに関する現在の知見をまとめたものです。製造および取り扱
い過程における主要な暴露経路として吸入が強調されています。論文では、コントロ

ールバンディングやnano-QSARモデルといったリスク評価ツールの進歩について議論
し、ナノ安全ガバナンスにおける統合的かつライフサイクル指向のアプローチの必要
性を強調しています。

公開日 2026年03月31日  Tecno Scientifica Publishing  国際



詳細

背景：ナノ材料の普及と新たな安全衛生課題

ナノテクノロジーの急速な発展は、医療、電子機器、エネルギー、材料科学など多岐に
わたる産業分野に革命をもたらしています。しかし、その一方で、エンジニアードナノ
材料（ENM）の製造、加工、利用が増加するにつれて、労働者の健康と安全に対する潜
在的なリスクが懸念されるようになりました。ENMは、その物理化学的特性がバルク材
料とは異なるため、従来の化学物質リスク評価手法では適切に評価できない場合があり
ます。このため、ENMに特化した暴露経路、リスク評価、規制枠組みに関する包括的な
理解が不可欠です。

主要内容：ENMの職場暴露、リスク評価、規制の現状

このレビュー記事は、エンジニアードナノ材料（ENM）の職場暴露に関する現在の知識
を体系的にまとめたものです。主な調査結果は以下の通りです。

主要な暴露経路：ENMの製造、取り扱い、およびダウンストリームプロセスにおい
て、労働者が最も暴露される経路は「吸入」であることが強調されています。特に、
粉じん状のナノ粒子や、ナノ材料を含むスプレー、エアロゾルが発生する作業では、
高濃度の暴露リスクが存在します。皮膚接触や経口摂取も潜在的な経路として認識さ
れていますが、吸入が最も懸念されています。

リスク評価ツールの進歩：従来の化学物質リスク評価ツールはナノ材料の特性に完全
に適用できないため、ENMに特化した新しいツールが開発されています。このレビ
ューでは、以下の進歩が議論されています。

コントロールバンディング（Control Banding）：暴露レベルと危険性に関する情
報に基づいて、特定の制御措置を推奨する半定量的リスク評価ツール。これによ
り、専門家ではないユーザーでもリスク管理戦略を効果的に実施できます。

nano-QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) モデル：ナノ粒子の
構造的特性（サイズ、形状、表面化学など）からその毒性を予測する計算モデ
ル。これにより、全てのナノ材料について実験的に毒性を評価することなく、潜
在的なハザードを効率的に特定できます。



規制枠組みの現状：多くの国や地域で、既存の化学物質規制（例：EUのREACH規
則）にナノ材料に関する条項が追加されつつあります。しかし、ナノ材料の定義の曖
昧さ、多様な形態、および急速な技術進歩により、既存の規制だけでは十分に対応し
きれていない現状が指摘されています。特に、ライフサイクル全体にわたるリスク評
価と管理を義務付ける、より統合的なアプローチが求められています。

影響と展望：持続可能なナノテクノロジーのための安全性確保

本レビューは、エンジニアードナノ材料の安全性ガバナンスにおける重要な課題と進歩
を浮き彫りにしています。職場でのナノ材料暴露リスクを適切に評価し、効果的に管理
することは、ナノテクノロジーの持続可能な発展に不可欠です。吸入暴露対策としての
工学的制御（排気システム、隔離）、個人用保護具（呼吸器保護具）、そして適切な作
業手順の確立が引き続き重要です。

今後の展望としては、ナノ材料の毒性メカニズムに関するさらなる研究、より高精度な
暴露モニタリング技術の開発、そして国際的な調和の取れた規制枠組みの構築が求めら
れます。特に、ライフサイクルアセスメント（LCA）の視点を取り入れ、製造から使
用、廃棄に至るまでの全段階でのリスクを評価・管理する統合的なアプローチは、社会
受容性を高め、ナノテクノロジーがもたらす恩恵を最大限に引き出すために不可欠で
す。この分野の進展は、技術革新と労働者の健康保護のバランスをいかに取るかとい
う、現代社会における重要な課題に対する指針となるでしょう。

元記事: https://tecnoscientifica.com/journal/erph/article/download/1138/525

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://tecnoscientifica.com/journal/erph/article/download/1138/525


標準化によって成長し続けるナノテクノロジーの可能性

概要

この記事は、ナノテクノロジーに特化した標準が、その進歩と商業化に与える影響に
ついて論じています。NIOSHおよびVireo Advisorsの専門家は、ISO技術委員会229が、

用語、計測、安全衛生、材料仕様に関する基礎的な標準を開発していることの重要性
を強調しています。彼らは、グラフェンやカーボンナノチューブの暴露測定、緩和
策、材料仕様における標準化の継続的な必要性を力説しています。

公開日 2021年10月08日  ANSI (American National Standards Institute)  アメリカ



詳細

背景：ナノテクノロジーの進展と標準化の必要性

ナノテクノロジーは、医療、電子機器、エネルギー、製造業など、広範な分野で革新的
な製品やプロセスを生み出す可能性を秘めています。しかし、その急速な発展は、新し
い材料の定義、測定方法、安全性評価、そして産業界での信頼性の高い利用に関する標
準化の必要性を浮き彫りにしています。標準がないと、異なる研究機関や企業間でデー
タの一貫性がなくなり、製品の互換性や安全性の保証が困難になるため、技術の商業化
や社会受容性が阻害されます。

主要内容：ISO TC 229によるナノ標準化の取り組み

アメリカ国家標準協会（ANSI）の記事では、ナノテクノロジーに特化した標準が、その
技術の進歩と商業化にどのように貢献しているかが議論されています。特に、NIOSH

（米国国立労働安全衛生研究所）およびVireo Advisorsの専門家は、国際標準化機構
（ISO）の技術委員会229（TC 229）が果たす中心的役割を強調しています。

ISO TC 229は、ナノテクノロジー分野における基礎的な標準の開発に注力しており、そ
の活動は多岐にわたります。

用語と定義：ナノスケール材料に関する共通の理解とコミュニケーションを促進する
ため、明確な用語と定義の確立。これにより、研究者、規制当局、産業界の間での混
乱を防ぎます。

計測方法：ナノ材料の物理的、化学的特性（サイズ、形状、表面積など）を正確に測
定するための標準化された方法の確立。これは、品質管理と研究データの比較可能性
にとって不可欠です。

安全衛生：ナノ材料の製造、取り扱い、利用における労働者と環境の安全を確保する
ためのガイドラインと評価手法。これには、暴露測定、毒性評価プロトコル、リスク
管理戦略が含まれます。

材料仕様：グラフェン、カーボンナノチューブ（CNT）など、特定のナノ材料に関す
る品質、性能、純度に関する仕様の確立。これにより、サプライチェーン全体の信頼
性と製品の応用範囲が拡大します。

専門家たちは、特に暴露測定、緩和策、およびグラフェンやCNTといった重要ナノ材料
の仕様に関する標準化の継続的な必要性を強調しています。これらの標準は、新しいナ
ノ製品が市場に投入される際の信頼性と安全性の基盤を構築します。



影響と展望：ナノテクノロジーの信頼性と市場拡大

ナノテクノロジー分野における標準化の進展は、この革新的な技術の信頼性を高め、そ
の市場拡大を加速させる上で不可欠です。標準化された用語や測定方法は、研究開発の
効率を高め、国際的な協力とデータ共有を促進します。また、安全衛生に関する標準
は、労働者の保護を強化し、規制当局の指針となり、企業が安心してナノ材料を開発・
利用できる環境を整備します。

グラフェンやカーボンナノチューブなどの先進材料の標準化は、これらの材料が自動
車、航空宇宙、エレクトロニクス、エネルギーといった主要産業でより広く採用される
ための障壁を低減します。今後、ナノテクノロジーの応用範囲がさらに広がるにつれ
て、標準化の役割はますます重要になるでしょう。ANSIとISO TC 229のような組織の継
続的な努力は、ナノテクノロジーがその真の可能性を最大限に発揮し、社会に持続的な
利益をもたらすための基盤を築きます。

元記事: https://www.ansi.org/standards-news/all-news/10-8-21-with-standards-the-potential-for-

nanotechnology-keeps-growing

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.ansi.org/standards-news/all-news/10-8-21-with-standards-the-potential-for-nanotechnology-keeps-growing
https://www.ansi.org/standards-news/all-news/10-8-21-with-standards-the-potential-for-nanotechnology-keeps-growing


OCSiAl、導電性ナノチューブインクによる電子回路印刷
をデモンストレーション

概要

OCSiAlは、同社のTUBALL™グラフェンナノチューブを含む導電性インクを使用して電
子回路を印刷できることを示す最新情報を共有しました。このデモンストレーション
では、紙の上に直接電気経路を作成できることが示され、エレクトロニクス分野にお

ける単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の実用的な応用が強調されました。これに
より、フレキシブルエレクトロニクスやスマートパッケージングなど、新たな応用分
野での可能性が広がります。

公開日 2026年05月21日  OCSiAl  ルクセンブルク



詳細

背景：フレキシブルエレクトロニクスと導電性インクの需要

現代のエレクトロニクス産業は、より薄く、軽く、柔軟で、かつ環境に優しいデバイス
へと進化を続けています。これに伴い、従来の金属配線に代わる、印刷可能で高性能な
導電性材料への需要が高まっています。特にフレキシブルエレクトロニクス、ウェアラ
ブルデバイス、スマートパッケージングなどの分野では、印刷技術を用いて直接基板上
に回路を形成できる導電性インクが不可欠です。カーボンナノチューブ（CNT）は、そ
の優れた電気伝導性と機械的強度から、次世代の導電性インクの主要材料として注目を
集めています。

主要内容：OCSiAlによるTUBALL™グラフェンナノチューブインクの応用デモンス

トレーション

単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の主要サプライヤーであるOCSiAlは、同社の
TUBALL™グラフェンナノチューブを配合した導電性インクの革新的な応用事例を共有し
ました。このデモンストレーションでは、一般的な紙の基板上に直接、機能する電子回
路を印刷できることが示されました。これは、以下のような重要な技術的特性と応用可
能性を浮き彫りにします。

高導電性：TUBALL™グラフェンナノチューブは、極めて高い電気伝導性を持つた
め、低含有量でも効果的な導電経路を形成できます。これにより、インクの材料コス
トを抑えつつ、高性能な回路を実現します。

優れた印刷適性：ナノチューブが均一に分散されたインクは、インクジェット印刷や
スクリーン印刷など、様々な印刷技術に対応可能です。これにより、複雑な回路パタ
ーンを高い精度で、かつ低コストで製造できます。

柔軟性と耐久性：紙のような柔軟な基板上でも安定した導電性を維持できるため、ウ
ェアラブルデバイスやフレキシブルセンサーなどの用途に適しています。ナノチュー
ブの機械的強度も、印刷された回路の耐久性に寄与します。

簡素化された製造プロセス：従来の回路製造プロセスと比較して、印刷による回路形
成は工程を大幅に簡素化し、製造時間とエネルギー消費を削減します。

このデモンストレーションは、OCSiAlが提供するSWCNTが、単なる原材料としてだけ
でなく、具体的な高付加価値製品としてエレクトロニクス分野で活用できることを明確
に示しています。



影響と展望：エレクトロニクス分野の革新と新市場の創出

OCSiAlによる導電性ナノチューブインクのデモンストレーションは、エレクトロニクス
産業における製造プロセスの革新と新たな市場の創出に大きく貢献する可能性を秘めて
います。特に、フレキシブルエレクトロニクス分野においては、以下のような応用が期
待されます。

ウェアラブルデバイス：より快適で高性能なスマートウォッチ、スマート衣料、ヘル
スケアモニターの開発。

スマートパッケージング：商品の状態をリアルタイムで監視するセンサーや、インタ
ラクティブな表示機能を備えたパッケージング。

IoTデバイス：低コストで大量生産可能なセンサーや通信モジュール。

3Dプリンティング：3D構造を持つ導電性部品の直接印刷による複雑な電子デバイス
の製造。

この技術は、印刷エレクトロニクス市場の成長を加速させるとともに、製造コストの削
減、環境負荷の低減、製品設計の自由度の向上といったメリットをもたらします。
OCSiAlは、単層カーボンナノチューブの持つポテンシャルを最大限に引き出し、未来の
エレクトロニクスを形作る上で重要な役割を果たす企業として、今後もその動向が注目
されます。

元記事: https://tuball.com/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://tuball.com/


ナノテクノロジー・材料分野の研究開発俯瞰報告書 2026
年版

概要

本記事は、科学技術振興機構（JST）が発行した「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノ
ロジー・材料分野（2026年）」の概要を紹介しています。この報告書は、日本のナノ
テクノロジーおよび材料分野における研究開発の戦略的な方向性、主要な研究領域、

および最新の進歩を網羅的に分析したものです。国家レベルでの研究投資の優先順位
付けや、国際的な競争力向上に向けた指針を提供する重要な資料となります。

公開日 日付不明  JST (科学技術振興機構)  日本



詳細

本記事は科学技術振興機構（JST）が発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

「研究開発の俯瞰報告書 ナノテクノロジー・材料分野（2026年）」は、日本の科学技
術政策において重要な位置を占めるナノテクノロジーおよび材料分野の研究開発動向を
詳細に分析した年次報告書です。本報告書は、2026年を対象期間とし、基礎研究から応
用研究、そして社会実装に至るまでの広範な活動を対象としています。日本の強みと課
題、国際的な位置づけを明確にし、今後の研究戦略の策定に資する情報を提供すること
を目的としています。

主要な調査結果

JSTの俯瞰報告書は、ナノテクノロジー・材料分野における複数の重要なトレンドと戦
略的ポイントを特定しています。主な調査結果は以下の通りです。

戦略的重点領域：次世代半導体材料、エネルギー変換・貯蔵材料、バイオ・医療用ナ
ノ材料、環境浄化材料など、国家として重点的に投資すべき分野が明確化されていま
す。特に、既存技術の限界を突破する革新的材料の開発に高い優先度が置かれていま
す。

日本の国際競争力：特定のナノ材料（例：カーボンナノチューブの合成・応用、ナノ
構造制御技術）においては国際的に高い競争力を持つ一方で、データ駆動型材料開発
やAIを活用した材料探索といったデジタルトランスフォーメーション（DX）分野で
の遅れが指摘されています。

産学官連携の強化：基礎研究の成果を迅速に社会実装へと繋げるため、大学、研究機
関、企業間の連携強化の重要性が強調されています。共同研究プロジェクトの推進
や、研究開発プラットフォームの共有が提言されています。

安全性・規制：ナノ材料の安全性評価技術や、それに伴う規制の国際的な動向も分析
されており、安全なナノテクノロジーの発展を支えるための基盤整備の必要性が示さ
れています。

この報告書は、具体的な市場規模や成長率の予測は直接含まれていませんが、日本の研
究開発投資の方向性を示す上で重要な指針となります。



発行会社について

科学技術振興機構（JST）は、日本の科学技術イノベーションを推進するための主要な
中核機関です。JSTは、研究開発の推進、研究成果の社会還元、科学技術情報の流通、
次世代人材の育成など、多岐にわたる事業を展開しています。特に、国家戦略に基づい
た重点分野への研究投資プログラム（例：CREST、さきがけ）を通じて、日本の科学技
術力の強化に貢献しています。得意分野は、基礎研究から応用研究までの一貫した支援
であり、社会課題解決に資するイノベーション創出を目指しています。

元記事: https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-06.html

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-06.html


ペロブスカイト量子ドット：次世代ディスプレイ向け最新
進歩と展望

概要

この論文は、次世代ディスプレイ応用におけるペロブスカイト量子ドット（PQD）の
最近の進歩と展望をレビューしています。PQDは、広い励起波長範囲、調整可能な発
光、狭い半値幅、高発光量子収率といった優れた発光特性を持ち、ディスプレイ用途

に理想的です。レビューでは、合成アプローチ、安定性改善、およびLCD、OLED、
μLEDなどの光ルミネセンスおよびエレクトロルミネセンスディスプレイへの応用につ
いて詳しく解説しています。

公開日 日付不明  PMC (PubMed Central)  国際



詳細

背景：ディスプレイ技術の進化と量子ドットの重要性

現代のディスプレイ技術は、より鮮やかで、よりリアルな視覚体験を追求し続けていま
す。従来の液晶ディスプレイ（LCD）や有機ELディスプレイ（OLED）は大きく進化しま
したが、色域の拡大、輝度、電力効率のさらなる向上が求められています。この中で、
量子ドット（QD）技術は、特にその狭い発光スペクトルと高い量子収率により、次世
代ディスプレイのキーテクノロジーとして注目されています。中でも、ペロブスカイト
量子ドット（PQD）は、その優れた発光特性から大きな期待が寄せられています。

主要内容：ペロブスカイト量子ドットの最新進歩

本レビュー論文は、次世代ディスプレイ応用におけるペロブスカイト量子ドット
（PQD）の最新の進歩と将来の展望を詳細に分析しています。PQDがディスプレイ技術
に革新をもたらす主要な理由は、その卓越した発光特性にあります。

優れた発光特性：PQDは、広範な励起波長範囲、容易に調整可能な発光色（赤、
緑、青）、極めて狭い発光半値幅（FWHM）、そして非常に高いフォトルミネセン
ス量子収率（PLQY）を特徴とします。これらの特性は、広い色域、高い色純度、鮮
明な画像表現を可能にし、特にRec.2020などの広色域規格に対応する上で非常に有利
です。

合成アプローチの多様化：PQDの合成方法も多様化しており、溶液プロセス、化学
蒸着法、メカノケミカル合成などが進展しています。これにより、粒径や組成を精密
に制御し、目的とする発光特性を持つPQDを効率的に製造できるようになっていま
す。

安定性の改善：従来のPQDは、水分、酸素、熱に弱く、安定性が課題とされていま
した。しかし、表面パッシベーション、無機カプセル化、ポリマーマトリックスへの
組み込みなどの技術開発により、これらの課題が克服されつつあります。例えば、量
子ドットをガラス中に封入する「QD-in-glass」技術は、長期的な安定性を実現する
有望なアプローチです。



ディスプレイへの応用：PQDは、すでに様々なディスプレイ技術への統合が進んで
います。

LCD（液体水晶ディスプレイ）：バックライトユニット（BLU）のカラーフィルタ
ーとしてQDフィルムを配置することで、色域を大幅に拡大したQLED-LCDとして
商品化されています。

OLED（有機ELディスプレイ）：OLEDとQDを組み合わせたQD-OLEDは、OLEDの
自己発光特性とQDの色変換能力を融合し、高輝度・高色純度を両立させていま
す。

μLED（マイクロLED）：μLEDは高輝度、長寿命が期待される次世代技術ですが、
フルカラー化の課題があります。PQDを色変換層として利用することで、効率的
かつ均一なフルカラーμLEDディスプレイの実現が期待されています。

影響と展望：次世代ディスプレイの標準確立

ペロブスカイト量子ドットの進歩は、ディスプレイ産業に劇的な影響を与え、次世代デ
ィスプレイ技術の標準を確立する可能性を秘めています。特に、PQDが持つ広色域、高
輝度、高効率という特性は、消費者にこれまでにない視覚体験を提供し、AR/VRデバイ
ス、透明ディスプレイ、フレキシブルディスプレイなど、新たなフォームファクタの出
現を加速させるでしょう。安定性改善の進展により、商業的な応用がさらに現実的にな
ります。

しかし、PQDの環境毒性（鉛フリー化の推進）や、長期的な安定性、大規模生産のコス
ト効率性など、まだ解決すべき課題も残されています。これらの課題が克服されれば、
PQDは、高精細で没入感のある視覚体験を提供するだけでなく、エネルギー効率が高
く、持続可能なディスプレイ技術の未来を形作る主要なイノベーターとなるでしょう。
この分野の研究は、日本のJSTのような機関も注目しており、国際的な協力がさらに求
められます。

元記事: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9268187/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9268187/


量子ドット市場2026：優れたディスプレイ性能と色精度
を解き放つ

概要

本記事はThe Business Research Companyが発行した市場調査レポートの概要紹介で
す。このレポートは、2026年における量子ドット（QD）市場に焦点を当て、次世代デ
ィスプレイ技術におけるQDの重要性が増していることを示しています。高輝度、広色

域、低エネルギー消費を実現するQDは、QLEDやQD強化型LCDなどのディスプレイ用
途で不可欠です。ディスプレイ以外にも、太陽電池、バイオイメージング、標的型薬
剤送達などの再生可能エネルギーやヘルスケア分野での研究も進んでおり、市場の多

様化が示唆されています。

公開日 2026年03月24日  The Business Research Company  国際



詳細

本記事はThe Business Research Companyが発行した市場調査レポートの概要紹介で
す。

レポート概要

The Business Research Companyによる「量子ドット市場2026」レポートは、量子ドッ
ト（QD）技術の現在の市場状況と将来の展望を分析したものです。このレポートは、
2026年を対象期間とし、QDがディスプレイ、照明、太陽電池、医療など多岐にわたる
産業においていかに重要な役割を果たすかを詳細に調査しています。特に、高画質ディ
スプレイ技術におけるQDの普及と、それに伴う市場成長の要因に焦点を当てていま
す。

主要な調査結果

量子ドット市場に関する主要な調査結果は以下の通りです。

ディスプレイ分野での優位性：量子ドットは、次世代ディスプレイ技術（QLED、QD

強化型LCDなど）において、高輝度、広色域、優れた色精度、および低エネルギー消
費を実現するために不可欠な材料となっています。これにより、消費者はより没入感
のある視覚体験を得ることができ、市場の成長を牽引しています。

市場の多様化：ディスプレイ用途に加えて、量子ドットは再生可能エネルギー分野
（高効率太陽電池）、ヘルスケア分野（高感度バイオイメージング、標的型薬剤送
達）、および診断（高精度診断ツール）など、新たな応用領域での研究開発が活発に
進んでいます。この多様化は、長期的な市場拡大のドライバーとして期待されていま
す。

技術的進歩：鉛フリー量子ドットの開発や、より安定性の高い製造プロセスの確立な
ど、量子ドット材料自体の技術的進歩が市場成長を後押ししています。これにより、
環境負荷の低減と製品信頼性の向上が両立されています。

具体的な市場規模や成長率の数値は、レポートのハイライトとして直接示されていませ
んが、レポートは市場の継続的な成長と革新を強く示唆しています。



発行会社について

The Business Research Companyは、グローバル市場調査およびビジネスインテリジェ
ンスのリーディングカンパニーです。幅広い産業分野において詳細な市場レポートと分
析を提供しており、企業が戦略的な意思決定を行うための信頼できるデータと洞察を提
供しています。同社のレポートは、市場規模、トレンド、成長ドライバー、競合分析、
予測などを網羅し、世界中のクライアントに利用されています。

元記事: https://natlawreview.com/press-releases/quantum-dot-market-2026-unlocking-superior-display-

performance-and-color

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://natlawreview.com/press-releases/quantum-dot-market-2026-unlocking-superior-display-performance-and-color
https://natlawreview.com/press-releases/quantum-dot-market-2026-unlocking-superior-display-performance-and-color


ナノインプリントリソグラフィシステム市場レポート
2026年版：政府のインセンティブとパートナーシップが
成長を牽引

概要

本記事はPRDUA Research & Media Private Limitedが発行した市場調査レポートの概要

紹介です。このレポートは、2026年におけるナノインプリントリソグラフィ（NIL）シ
ステム市場の成長が、政府のインセンティブや戦略的パートナーシップによって牽引
されていると分析しています。主要企業にはObducat、EV Group、Canon (Molecular

Imprints)、Nanonex、SUSS MicroTecが含まれ、高度なエレクトロニクス製造に注力し
ています。市場は半導体やオプトエレクトロニクスの製造に集中しており、高額な初
期投資が課題として挙げられています。

公開日 2026年02月05日  PRDUA Research & Media Private Limited  インド



詳細

本記事はPRDUA Research & Media Private Limitedが発行した市場調査レポートの概要
紹介です。

レポート概要

PRDUA Research & Media Private Limitedが発表した「ナノインプリントリソグラフィ
（NIL）システム市場レポート 2026年版」は、次世代半導体製造技術として注目される
NILシステムの市場動向と成長要因を詳細に分析しています。このレポートは2026年を
対象としており、NIL技術の現状、主要企業の競争状況、そして市場の将来的な展望に
ついて包括的な情報を提供します。特に、政府の支援策と企業間の連携が市場成長に与
える影響に焦点を当てています。

主要な調査結果

NILシステム市場に関する主要な調査結果は以下の通りです。

成長の推進要因：市場の成長は、世界各国の政府によるナノテクノロジー研究開発へ
のインセンティブや、NIL技術の商業化を加速させるための戦略的パートナーシップ
によって大きく牽引されています。これらの要因が、NILの技術的成熟と産業への導
入を促進しています。

主要プレーヤー：市場には、Obducat、EV Group、Canon（Molecular Imprintsの技
術を含む）、Nanonex、SUSS MicroTecといった主要なNILシステムプロバイダーが存
在します。これらの企業は、高精度なNIL装置と関連技術の開発に注力し、市場競争
を繰り広げています。

主な応用分野：NIL市場は、主に半導体デバイス（例えば、NANDフラッシュメモ
リ、DRAM）やオプトエレクトロニクス製品（LED、光導波路、AR/VRデバイスの光
学部品）の製造に集中しています。これらの分野でNILは、微細加工とコスト効率の
高さから期待されています。

市場の課題：NIL技術の導入には、高額な初期投資が必要であることや、欠陥制御の
難しさ、製造プロセスの標準化といった課題が存在します。これらの課題は、NILの
さらなる普及を阻害する可能性がありますが、技術革新と規模の経済によって徐々に
克服されつつあります。

レポートは、これらの要因が市場に与える影響を分析し、NIL技術が次世代エレクトロ
ニクス製造において重要な役割を果たすことを示唆しています。



発行会社について

PRDUA Research & Media Private Limitedは、インドを拠点とする市場調査およびコ
ンサルティング会社です。同社は、様々な業界セクターにおいて詳細な市場分析、競争
情報、戦略的洞察を提供しています。特に、新興技術や高成長市場に関する専門知識を
持ち、企業が情報に基づいた意思決定を行うためのサポートを行っています。

元記事: https://www.datainsightsmarket.com/reports/nanoimprint-lithography-system-1555292

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.datainsightsmarket.com/reports/nanoimprint-lithography-system-1555292


ナノインプリントリソグラフィはEUVにすぐに匹敵しない
だろう：コストとスループットの現実

概要

この記事は、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）が近い将来、最先端のチップ製造
においてEUVリソグラフィと競合する可能性は低いと論じています。NILは低コストと
低消費電力という利点を持つものの、マスクの耐久性や、大量生産に必要な堅牢なレ

ベルでのスケーラビリティといった技術的なハードルが依然として大きな課題です。
キヤノンは20年以上にわたりNILを開発しており、5nm以上の先進チップに対応できる
と主張していますが、実用化には時間がかかると見られています。

公開日 2025年11月04日  Bits&Chips  オランダ



詳細

背景：半導体リソグラフィの最先端競争

半導体製造技術の進化は、現代社会のデジタル化を支える根幹です。特にリソグラフィ
技術は、チップ上の回路線を微細化する上で最も重要なプロセスであり、その進化が半
導体の性能とコストを決定づけます。現在、最先端のチップ製造では、極端紫外線
（EUV）リソグラフィが主流となっていますが、EUVは導入コストが極めて高く、複雑
な装置とインフラを必要とします。このため、より低コストで効率的な代替技術とし
て、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）が注目を集めています。

主要内容：ナノインプリントリソグラフィの課題とEUVとの比較

Bits&Chipsの記事は、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）が持つ多くの利点にもか
かわらず、近い将来、最先端のチップ製造においてEUVリソグラフィに直接取って代わ
る可能性は低いとの見解を示しています。NILは、マスターモールドをパターン層に直
接押し付けることで回路を形成するため、光を用いるEUVに比べて波長による分解能の
制限がなく、原理的に極めて微細なパターンを形成できます。また、装置コストがEUV

より大幅に低く、消費電力も少ないというメリットがあります。

しかし、NILが直面する主要な技術的課題は以下の通りです。

マスク（モールド）の耐久性：NILはマスターモールドを基板に直接接触させるた
め、モールドの摩耗や損傷が避けられず、特に大量生産環境での長期的な安定性が課
題となります。モールドの寿命と製造コストのバランスが重要です。

欠陥管理と歩留まり：ナノスケールでの欠陥（微細な粒子付着、インプリント不良な
ど）は、チップの歩留まりに直接影響します。EUVに匹敵するレベルでの欠陥管理
と、高歩留まりでの大量生産を実現するための技術的解決策が求められています。

スケーラビリティ：最先端のチップ製造では、ウェハ全体にわたる極めて均一なイン
プリントが求められます。大きなウェハサイズでの均一な圧着と材料充填は技術的に
困難であり、堅牢なプロセススケーラビリティの確立が課題です。

日本のキヤノンは、20年以上にわたりNIL技術の開発を進めており、5nmノードさらに
はそれ以上の先進チップに対応可能であると主張しています。キヤノンの「J-FIL（Jet

and Flash Imprint Lithography）」技術は、液滴塗布とUV硬化を組み合わせることで、
これらの課題を克服しようとしています。



影響と展望：ニッチ市場と将来的な可能性

この記事は、NILがEUVと直接競争するのではなく、まず特定のニッチ市場や、EUVが技
術的に高コストすぎる分野でその強みを発揮する可能性を示唆しています。例えば、
NANDフラッシュメモリのように、パターンが高密度ではあるものの、ロジックチップ
ほど複雑な多層配線を必要としないデバイスや、マイクロLED、光学デバイス、MEMS
センサーなどの製造においてNILが有利となるでしょう。

長期的には、マスクの耐久性向上、欠陥低減技術の確立、そして生産スループットの最
適化が進むことで、NILはより広範な半導体製造に適用され、将来的にはEUVの補完技
術、あるいは特定の領域では代替技術としての地位を確立する可能性があります。キヤ
ノンのような企業の継続的な研究開発投資が、NILのポテンシャルを最大限に引き出
し、半導体製造の風景を変える重要な鍵となるでしょう。

元記事: https://bits-chips.com/article/nanoimprint-lithography-wont-compete-with-euv-anytime-soon/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://bits-chips.com/article/nanoimprint-lithography-wont-compete-with-euv-anytime-soon/


キヤノン、ナノインプリント技術に大規模投資：日本新工
場で先進チップ製造を標的

概要

キヤノンは、栃木県宇都宮市に500億円を投じてリソグラフィ装置の新工場を建設する
と発表しました。この投資は、リソグラフィシステムの生産能力を3倍に高め、同社の
ナノインプリントリソグラフィ（NIL）技術をASMLのEUV技術に対抗する挑戦者とし

て確立することを目指しています。新工場は2025年9月に稼働を開始し、2027年まで
にフル稼働に達する予定で、半導体製造装置の需要急増に対応します。キヤノンはNIL

が2nmプロセスノードのチップを、はるかに低いコストとエネルギー消費で実現可能

だと主張しています。

公開日 日付不明  Move Silicon  日本



詳細

背景：半導体製造競争とリソグラフィ技術の戦略的重要性

現代社会において、半導体はあらゆるデジタル技術の根幹をなし、その需要は世界的に
急増しています。半導体チップの性能は、微細な回路パターンを形成するリソグラフィ
技術の進歩に大きく依存しています。現在、最先端プロセスではASML社が独占的に供
給するEUV（極端紫外線）リソグラフィが主流ですが、EUV装置は非常に高価であり、
戦略的な技術競争が激化しています。このような状況下で、よりコスト効率が高く、原
理的に微細化が可能な代替技術への関心が高まっています。

主要内容：キヤノンによるナノインプリントリソグラフィへの大規模投資

日本の光学・精密機器大手であるキヤノンは、次世代半導体製造技術であるナノインプ
リントリソグラフィ（NIL）の普及と強化に向け、大規模な投資を行うことを発表しま
した。具体的には、栃木県宇都宮市に約500億円を投じてリソグラフィ装置の新工場を
建設します。

この新工場建設には、以下の主要な目的があります。

生産能力の劇的拡大：既存のリソグラフィシステムの生産能力を3倍に引き上げ、世
界的な半導体製造装置の需要増に対応します。新工場は2025年9月に一部稼働を開始
し、2027年までにフル稼働体制を確立する計画です。

NIL技術の市場確立：キヤノンは、自社のNIL技術を、最先端プロセスで優位に立つ
ASML社のEUV技術に対抗する強力な選択肢として市場に確立することを目指してい
ます。NILは、マスターモールドを材料に直接転写する方式のため、光の回折限界に
制約されず、原理的にEUVよりも微細なパターン形成が可能とされます。

2nmプロセスノードへの対応：キヤノンは、NIL技術が2nmプロセスノードといった
最先端のチップ製造にも適用可能であると主張しています。これは、EUVが現在到達
しているレベルと同等か、それを超える微細化を、はるかに低い装置コストとエネル
ギー消費で実現できることを意味します。NIL装置はEUV装置の約10分の1の価格で、
消費電力も約10分の1に抑えられるとされています。



キヤノンは、特にNAND型フラッシュメモリや特定のロジックチップなど、パターンが
比較的単純で繰り返しが多いデバイスにおいてNILが競争力を発揮すると見ています。
同社の「J-FIL（Jet and Flash Imprint Lithography）」技術は、レジスト液を滴下・充填
し、紫外線で硬化させることで、マスク摩耗や欠陥のリスクを低減する工夫が施されて
います。

影響と展望：半導体産業の勢力図変化とキヤノンの再浮上

キヤノンによるNIL技術へのこの大規模投資は、世界の半導体製造装置市場における勢
力図に大きな影響を与える可能性があります。EUVが最先端を独占する中で、NILがコ
ストと環境負荷の低減という明確な利点を持って台頭すれば、半導体サプライチェーン
全体の多様化と競争促進に繋がります。特に、日本の産業界が再び半導体製造の中核技
術で主導権を握るための戦略的な動きとしても注目されます。

NILが2nmノードを実現できれば、データセンター、AIチップ、モバイルデバイスな
ど、高性能が求められる様々な分野での需要に応えることができます。キヤノンのこの
挑戦は、EUVを補完する技術としてだけでなく、特定の分野で主導権を握る可能性を秘
めており、今後の技術開発と市場導入の進捗が注目されます。この動きは、日本の技術
革新力が世界のハイテク産業に与える影響力を改めて示すものです。

元記事: https://movesilicon.com/news/canon-bets-on-nanoimprint-new-japan-fab-targets-advanced-

chipmaking

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://movesilicon.com/news/canon-bets-on-nanoimprint-new-japan-fab-targets-advanced-chipmaking
https://movesilicon.com/news/canon-bets-on-nanoimprint-new-japan-fab-targets-advanced-chipmaking


2D材料の展望2026：グラフェン、MoS2、h-BN、
MXenesにおけるイノベーションと特許動向

概要

このPatSnap Eurekaのレポートは、2026年における2D材料の展望を分析しています。
グラフェン、二硫化モリブデン（MoS2）、六方晶窒化ホウ素（h-BN）、MXeneとい
った主要な材料に焦点を当て、それらのイノベーションベクトル、合成技術の最前線

（ラボスケールの剥離からウェハーサイズのCVDまで）、および特許活動を詳細に調
査しています。各材料ファミリーは、その電子構造、スケーラビリティ、デバイス互
換性の観点から議論され、特許出願数ではグラフェンがリードしています。

公開日 2026年04月22日  PatSnap Eureka  シンガポール



詳細

背景：2次元材料が拓く次世代技術

グラフェンに代表される2次元材料は、そのユニークな物理的・化学的特性から、エレ
クトロニクス、エネルギー、医療、複合材料など、多岐にわたる分野で革新的な応用が
期待されています。原子レベルの薄さでありながら、高い電気伝導性、機械的強度、光
学的透明性を持つこれらの材料は、次世代デバイスの性能を飛躍的に向上させる可能性
を秘めています。しかし、研究室レベルでの発見から産業界での広範な応用へと移行す
るには、スケーラブルな製造技術の確立と、各材料の特性を最大限に引き出すための技
術革新が不可欠です。

主要内容：2026年における2D材料の展望と主要動向

PatSnap Eurekaが発表した「2D材料の展望2026」レポートは、グラフェン、二硫化モリ
ブデン（MoS2）、六方晶窒化ホウ素（h-BN）、そしてMXeneという4つの主要な2次元
材料に焦点を当て、その技術革新と市場動向を詳細に分析しています。レポートの主な
調査結果は以下の通りです。

主要なイノベーションベクトル：2D材料に関する研究開発は、主に以下の方向で進
められています。

デバイス性能の最適化：トランジスタ、センサー、LEDなど、様々な電子・光電子
デバイスにおける2D材料の性能向上。

多機能化：複数の2D材料を積層・複合化することで、新たな機能や特性を持つハ
イブリッド材料の創出。

製造コスト削減と品質向上：高品質な2D材料を大規模かつ低コストで製造するた
めの合成技術の改善。

合成技術の最前線：2D材料の製造技術は、研究室スケールの手動剥離法から、産業
応用を視野に入れたウェハーサイズの化学気相成長（CVD）法へと進化しています。
特に、大面積で均一な高品質フィルムを形成する技術が活発に研究されています。

特許活動：2D材料分野における特許出願は活発であり、特にグラフェンが特許ファ
ミリー数で他をリードしています。これは、グラフェンの広範な応用可能性と商業的
価値が強く認識されていることを示唆しています。



各材料ファミリーの特性と応用：

グラフェン：優れた電気伝導性と熱伝導性、機械的強度から、電子デバイス、エ
ネルギー貯蔵、複合材料に広く応用。

MoS2：半導体特性を持つため、トランジスタや光検出器、触媒としての応用が期
待されます。

h-BN（ホワイトグラフェン）：優れた絶縁性と熱伝導性を持ち、グラフェンデバ
イスの誘電体層や熱管理材料として重要。

MXene：高い導電性と親水性、多様な化学組成から、エネルギー貯蔵（スーパー
キャパシタ、バッテリー）、電磁波シールド、センサーなどに新興の応用が期待
されています。

影響と展望：2D材料が牽引する技術革新と産業の未来

PatSnap Eurekaのレポートは、2D材料が今後数年間で多様な産業分野に大きな影響を与
え続けることを示唆しています。特に、グラフェン、MoS2、h-BN、MXeneのような主
要材料の技術的成熟とスケーラブルな製造法の確立は、次世代半導体、高性能バッテリ
ー、フレキシブルエレクトロニクス、高感度センサーなどの開発を加速するでしょう。

特許活動の活発さは、この分野における商業的競争とイノベーションの速さを反映して
います。今後は、材料の欠陥制御、均一性、歩留まりの向上が、広範な産業応用を実現
するための鍵となります。また、2D材料を既存の技術と統合するための標準化も重要性
を増していくでしょう。2D材料は、単なる材料ではなく、デジタル社会の新たなインフ
ラを構築する基盤技術として、その進化が引き続き注目されます。

元記事: https://www.patsnap.com/resources/blog/mse-blog/2d-materials-landscape-2026-patsnap-

eureka/

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.patsnap.com/resources/blog/mse-blog/2d-materials-landscape-2026-patsnap-eureka/
https://www.patsnap.com/resources/blog/mse-blog/2d-materials-landscape-2026-patsnap-eureka/


直接ナノインプリントリソグラフィを用いた非線形フォト
ニクスの実現

概要

この研究は、直接ナノインプリントリソグラフィ（NIL）を非線形フォトニクスに応用
することについて説明しています。ナノ粒子とカスタム設計されたゾルゲル材料を利
用することで、高い光学品質を持つ多結晶ナノ構造が作成されます。このアプローチ

は、モノ結晶代替品を超えて、非線形「フラットオプティクス」デバイスの製造のた
めのスケーラブルかつ費用対効果の高い製造方法を提供します。

公開日 日付不明  Optical Nanomaterial Group (ETH Zurich)  スイス



詳細

背景：非線形フォトニクスと製造の課題

非線形フォトニクスは、光と物質の相互作用を利用して、光周波数変換、光スイッチン
グ、量子光学などの高度な機能を可能にする技術分野です。これは、次世代の光通信、
センサー、量子コンピューティングにおいて不可欠な役割を担いますが、その実現に
は、光学的特性が優れた非線形材料を高精度にナノ構造化する技術が必要です。従来の
製造方法では、コストが高く、スケーラビリティに課題があり、特にモノ結晶材料の使
用は複雑で費用がかかるという制約がありました。

主要内容：直接ナノインプリントリソグラフィによる非線形フォトニクスの革新

ETH Zurichの光学ナノ材料グループによるこの研究は、直接ナノインプリントリソグラ
フィ（NIL）を非線形フォトニクスの分野に応用し、その製造における画期的なアプロ
ーチを提案しています。この技術は、特にナノ粒子とカスタム設計されたゾルゲル材料
を組み合わせることで、従来の課題を克服することを目指しています。

本技術の主な特徴は以下の通りです。

高い光学品質の多結晶ナノ構造：NILは、ナノ粒子を埋め込んだゾルゲル材料にマス
ターモールドのパターンを直接転写し、その後熱処理などによって多結晶のナノ構造
を形成します。このプロセスにより、高い光学的透明性と均一な非線形特性を持つ材
料を、ナノスケールで精密に加工することが可能になります。

ナノ粒子とゾルゲルの利用：非線形光学特性を向上させるために、ペロブスカイト型
や半導体ナノ結晶などの高屈折率または高非線形性のナノ粒子がゾルゲルマトリック
スに組み込まれます。ゾルゲル法は、材料の組成や物性を精密に制御できる利点があ
ります。

スケーラビリティとコスト効率：NILは、マスターモールドを繰り返し使用して複数
の基板にパターンを転写できるため、非常にスケーラブルであり、高価なリソグラフ
ィ装置や複雑なプロセスを必要とする従来の製造方法に比べて大幅にコストを削減で
きます。これにより、非線形フォトニックデバイスの量産化が促進されます。

「フラットオプティクス」への応用：この手法は、かさばるレンズやプリズムを必要
としない、薄型・軽量の非線形「フラットオプティクス」デバイスの製造に特に適し
ています。これは、光通信システムやウェアラブルデバイスの小型化に貢献します。



このアプローチは、従来のモノ結晶ベースの非線形デバイス製造に代わる、より柔軟で
経済的な選択肢を提供します。

影響と展望：次世代光デバイスの普及とイノベーション

直接ナノインプリントリソグラフィを用いた非線形フォトニクス技術の発展は、次世代
光デバイスの普及とイノベーションに大きな影響を与えるでしょう。スケーラビリティ
とコスト効率の高さは、高性能な非線形デバイスの市場投入を加速させ、以下のような
幅広い応用を可能にします。

超高速光通信：データ伝送容量の増大と低遅延化を実現する非線形光スイッチや変調
器。

量子情報技術：単一光子源や量子もつれ生成など、量子コンピューティングや量子通
信の基盤となるコンポーネント。

先進センサー：小型で高感度な環境センサーやバイオセンサー。

AR/VRデバイス：軽量で高性能な光学素子。

この技術は、ナノ材料科学と精密加工技術の融合により、光学デバイスの設計と製造に
新たな自由度をもたらします。今後は、さらに多様な非線形材料との組み合わせや、3D
構造化技術の発展により、非線形フォトニクスが社会にもたらす恩恵がさらに拡大する
ことが期待されます。ETH Zurichのようなトップレベルの研究機関によるこうしたブレ
ークスルーは、国際的なナノテクノロジー研究の最前線を牽引するものです。

元記事: https://ong.ethz.ch/research/Direct-nanoimprint-lithography-for-nonlinear-photonics.html

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://ong.ethz.ch/research/Direct-nanoimprint-lithography-for-nonlinear-photonics.html


テーラーメイドの脂質ベースナノ粒子を癌治療用薬剤送達
システムとして応用するセラノスティクス

概要

このレビュー記事は、癌治療のためのセラノスティックプラットフォームとしての脂
質ベースナノ粒子（LNP）の進歩に焦点を当てています。LNPは、治療ペイロードとイ
メージング剤を統合し、リアルタイムモニタリングと精度向上を実現します。LNP

は、受動的および能動的ターゲティングを通じて、薬剤の溶解性、安定性、生体内分
布、および腫瘍蓄積を向上させます。記事では、安定性、免疫原性、大規模製造など
の課題、および免疫療法との統合やAI支援設計を含む将来の展望について議論してい

ます。

公開日 2025年10月03日  ACS Applied Nano Materials  アメリカ



詳細

背景：癌治療におけるセラノスティクスの重要性

癌治療は、薬剤の有効性と副作用のバランスをいかに取るかという課題に常に直面して
います。近年、診断（Diagnosis）と治療（Therapy）を組み合わせた「セラノスティク
ス（Theranostics）」という概念が注目されています。セラノスティクスは、薬剤送達
システムにイメージング機能を付加することで、薬剤の体内動態をリアルタイムで監視
し、治療効果を予測・最適化することを可能にします。これにより、個別化された高精
度な癌治療が期待されますが、これを実現するためには、効率的な薬剤とイメージング
剤の同時送達が可能なプラットフォームが必要とされています。

主要内容：癌治療のための脂質ベースナノ粒子の進歩

ACS Applied Nano Materialsに掲載されたこのレビュー記事は、癌治療におけるセラノ
スティックプラットフォームとしてのテーラーメイド脂質ベースナノ粒子（LNP）の最
新の進歩を強調しています。LNPは、mRNAワクチンでその有効性が実証された実績を
持ち、癌治療においてもその多機能性から大きな可能性を秘めています。

本レビューで議論されているLNPの主要な進歩と特性は以下の通りです。

治療ペイロードとイメージング剤の統合：LNPは、抗癌剤、遺伝子治療薬（siRNA、
mRNA）、そしてMRI造影剤や蛍光プローブといったイメージング剤を単一のナノ粒
子内に同時に封入することができます。これにより、薬剤の送達と腫瘍の可視化を同
時に行い、リアルタイムでの治療モニタリングを実現します。

薬剤特性の向上：LNPは、難溶性薬剤の溶解性を向上させ、薬剤を生体内で安定化さ
せ、分解から保護します。これにより、薬剤の血中滞留時間を延長し、標的部位への
到達効率を高めます。

受動的および能動的ターゲティング：LNPは、EPR（Enhanced Permeation and

Retention）効果を利用した受動的ターゲティングにより、腫瘍組織に優先的に蓄積
します。さらに、LNP表面に特定のリガンド（例：抗体、ペプチド）を結合させるこ
とで、癌細胞に特異的に結合する能動的ターゲティングが可能となり、薬剤の選択性
を劇的に向上させます。



製造と課題：LNPの製造プロセスは、脂質の組成や混合比、サイズ制御など、多くの
最適化要素を含みます。レビューでは、LNPの安定性（凝集、薬剤漏洩）、免疫原性
（生体適合性）、そして大規模生産のスケーラビリティといった、商業化に向けた主
要な課題が議論されています。

影響と展望：癌医療の未来を担うLNPセラノスティクス

脂質ベースナノ粒子を用いたセラノスティクスプラットフォームは、癌治療の未来を大
きく変える可能性を秘めています。診断と治療を一体化することで、医師は患者の腫瘍
の状態をリアルタイムで把握し、個々の患者に合わせた最適な治療戦略を立てることが
できます。これは、治療効果の最大化と副作用の最小化に直結し、個別化医療の進展を
加速させます。

今後の展望としては、以下の点が挙げられます。

免疫療法との統合：LNPを介した薬剤送達を癌免疫療法と組み合わせることで、抗腫
瘍免疫応答を強化し、より強力な治療効果が期待されます。

AI支援設計：人工知能（AI）を活用して、LNPの組成、構造、表面修飾を最適化する
ことで、送達効率と特異性をさらに高める研究が進むでしょう。

臨床応用の拡大：現在進行中の臨床試験の成功により、様々な癌種や治療段階への
LNPセラノスティクスの応用が拡大していくことが予想されます。

これらの進歩は、癌患者の予後を改善し、治療による負担を軽減するために不可欠なも
のです。LNPセラノスティクスは、ナノテクノロジーが医療分野にもたらす、最も有望
で影響力のあるイノベーションの一つとして注目されています。

元記事: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.5c03503

収集日: 2026年05月22日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.5c03503


ペロブスカイト量子ドット（PQD）の基本概要と応用

概要

このページは、ペロブスカイト量子ドット（PQD）の概要を提供しており、それらを
カルシウムチタン酸化物と同様の結晶構造を持つペロブスカイト材料に基づく量子ド

ットのクラスとして説明しています。PQDは、欠陥に対する耐性、優れたフォトルミ
ネセンス量子収率、高い色純度など、金属カルコゲナイドQDに匹敵するかそれを上回
る特性を持つことで知られています。これにより、LEDディスプレイや太陽電池などの

電子およびオプトエレクトロニクス用途に非常に適しています。

公開日 2024年07月03日  (情報提供元不明)  国際



詳細

背景：量子ドット技術の進展と次世代材料の探求

量子ドット（QD）は、そのユニークな量子サイズ効果により、優れた光学的・電子的
特性を示すナノ結晶材料です。ディスプレイ、照明、太陽電池など様々な分野で革新を
もたらすとして広く研究されてきました。特に、より高性能で、かつ製造が容易な次世
代QD材料の探求が続いており、その中でペロブスカイト量子ドット（PQD）が大きな
注目を集めています。

主要内容：ペロブスカイト量子ドット（PQD）の特性と利点

この情報ページは、ペロブスカイト量子ドット（PQD）に関する基本的な概要と、その
特筆すべき特性について解説しています。PQDは、一般的な式ABX3で表されるペロブ
スカイト構造を持つ材料（例えば、CsPbBr3）をナノスケールに加工したものです。こ
の構造は、鉱物ペロブスカイト（カルシウムチタン酸化物、CaTiO3）に類似していま
す。

PQDの主な特性と利点は以下の通りです。

優れた光学的特性：PQDは、非常に高いフォトルミネセンス量子収率（PLQY）、狭
い発光スペクトル半値幅（FWHM）、広範な励起波長範囲、そして容易に調整可能
な発光色（量子サイズと組成の変更により）を示します。これらの特性は、鮮やかで
純粋な色再現を可能にし、特にディスプレイ用途で有利です。多くのPQDは、PLQY

が90%を超えることも報告されています。

欠陥耐性：従来の半導体QDと比較して、PQDは欠陥に対する耐性が高いという特徴
を持っています。これは、量子ドットの性能が結晶欠陥にあまり左右されないことを
意味し、製造プロセスの簡素化や安定性向上に寄与します。

高い色純度：狭いFWHMは、高い色純度（非常に純粋な赤、緑、青）を意味し、
BT.2020などの広色域規格に対応するディスプレイの実現を可能にします。

容易な合成：比較的低温での溶液プロセスで合成できるため、製造コストを抑えら
れ、大量生産にも適しています。

これらの優れた特性により、PQDは以下のような電子およびオプトエレクトロニクス用
途に非常に適しています。



LEDディスプレイ：QLED（量子ドット発光ダイオード）やQD-OLEDなどの次世代デ
ィスプレイにおいて、より広い色域と高効率な発光を実現します。

太陽電池：光電変換効率の向上が期待され、ペロブスカイト太陽電池の性能をさらに
高める可能性があります。

照明：高演色性でエネルギー効率の高いLED照明の開発に貢献します。

光検出器、レーザー、バイオイメージング：これらの分野でも応用が探求されていま
す。

影響と展望：ディスプレイとエネルギー分野の革新

ペロブスカイト量子ドットは、その比類のない光学特性と比較的容易な合成法により、
ディスプレイ産業とエネルギー産業に革命をもたらす可能性を秘めています。特に、高
色純度と高効率を求める次世代ディスプレイでは、PQDが標準技術となることが期待さ
れます。また、太陽電池の分野では、低コストで高効率なデバイスの実現に貢献し、再
生可能エネルギーの普及を加速させるでしょう。

しかし、PQDは水分や酸素に対する安定性が課題とされており、鉛フリー化や長期的な
耐久性向上が今後の研究開発の焦点となります。これらの課題が克服されれば、PQD
は、より鮮やかで省エネルギーなディスプレイ、そしてより効率的な太陽光発電システ
ムという、二つの大きな市場において中心的な役割を果たすことになり、持続可能な社
会の実現に大きく貢献すると期待されています。

元記事: https://www.perovskite-info.com/perovskite-quantum-dots-pqds
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キヤノンのナノインプリントリソグラフィロードマップ
2015-2026：J-FIL技術の進化

概要

このPatSnapの記事は、キヤノンの2015年から2026年までのナノインプリントリソグ
ラフィ（NIL）ロードマップを概説し、その中核技術であるJ-FIL（Jet and Flash Imprint

Lithography）の詳細を説明しています。J-FILは波長による制約を排除し、光学近接効

果補正なしにサブ10nmのパターン解像度を可能にします。ロードマップは、オーバー
レイ精度、欠陥低減におけるブレークスルー、および2024年10月の最初の商用出荷か
ら、最終的に2nmノードを目指すまでの道のりを示しています。

公開日 2026年04月09日  PatSnap  シンガポール



詳細

背景：半導体微細化の限界と新たなリソグラフィ技術の探求

半導体業界では、ムーアの法則に従いチップの微細化が絶え間なく進められてきまし
た。しかし、従来の光リソグラフィ技術は、使用する光の波長に起因する解像度限界に
直面しており、EUV（極端紫外線）リソグラフィが導入されていますが、その装置は極
めて高価であり、運用コストも高いという課題があります。このため、よりコスト効率
が高く、物理的な限界の少ない新たなリソグラフィ技術が求められており、ナノインプ
リントリソグラフィ（NIL）はその有力な候補の一つとして注目されています。

主要内容：キヤノンのNILロードマップとJ-FIL技術

PatSnapが報じたこの記事では、2015年から2026年までのキヤノンのナノインプリント
リソグラフィ（NIL）の戦略的ロードマップが詳細に解説されています。キヤノンは、
その中心技術である「J-FIL（Jet and Flash Imprint Lithography）」の開発に注力してお
り、この技術が半導体製造に革命をもたらす可能性を秘めていると強調しています。

J-FIL技術とロードマップの主な特徴は以下の通りです。

波長制約の排除：J-FILは、感光性樹脂を塗布した基板にマスターモールドを直接押し
付け、紫外線（UV）を照射して硬化させることでパターンを転写します。このプロ
セスは光の回折限界に依存しないため、EUVのような複雑な光学系を必要とせず、原
理的に極めて微細なパターン形成が可能です。これにより、サブ10nmの微細パター
ンを、光学近接効果補正（OPC）なしで実現できるとされています。

オーバーレイ精度の向上：ロードマップでは、ウェハ上の既存パターンと新たに転写
するパターンの位置合わせ精度（オーバーレイ精度）を、次世代半導体デバイスの要
求を満たすレベルにまで向上させるための技術的ブレークスルーが示されています。
これは、多層配線を持つ複雑なチップ製造において極めて重要です。

欠陥低減技術：NILの主要な課題の一つである欠陥（パーティクル付着、気泡、転写
不良など）を最小限に抑えるための技術開発がロードマップに含まれています。キヤ
ノンは、液滴塗布方式の採用や、モールドの清掃技術の改良により、これらの課題を
克服しようとしています。



商用出荷と将来のノード：2024年10月に最初の商用NIL装置が出荷されたことは、
NIL技術が研究段階から実用化段階へと移行した重要な節目です。ロードマップは、
この技術をさらに進化させ、将来的には5nm、そして最終的には2nmノードといった
最先端の半導体プロセスに対応することを目指しています。

影響と展望：低コスト・高性能半導体製造の実現

キヤノンのナノインプリントリソグラフィロードマップは、半導体製造の風景を大きく
変える可能性を秘めています。J-FIL技術が2nmノードに対応できるようになれば、EUV

リソグラフィに比べて大幅に低い装置コストと運用コストで、最先端のチップを製造で
きる代替手段を提供することになります。これは、データセンター、AIチップ、モバイ
ルデバイスなど、高性能が求められる幅広いアプリケーションにおいて、半導体チップ
のコスト削減と供給安定化に貢献するでしょう。

特に、NAND型フラッシュメモリのように繰り返しパターンの多いデバイスや、マイク
ロLED、光学デバイス、MEMSセンサーなどの特殊なデバイス製造において、NILは強力
な競争力を持つと見られています。この技術の進展は、半導体産業における日本の技術
的プレゼンスを再強化するだけでなく、世界的な半導体サプライチェーンの多様化と強
靭化にも寄与することが期待されます。キヤノンによる継続的なイノベーションは、ナ
ノテクノロジーが高度な製造業にもたらす恩恵の好例となるでしょう。

元記事: https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/canon-nanoimprint-lithography-roadmap-

2015-2026/
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ナノインプリントリソグラフィの可能性を最大限に引き出
す：AR、3Dセンシング、バイオテクノロジーへの応用

概要

この記事は、従来のシリコンMOSFETを超え、拡張現実（AR）、先進3Dセンシング、
高帯域幅データ通信/通信、バイオテクノロジーデバイスなど、様々な半導体デバイス
におけるナノインプリントリソグラフィ（NIL）の可能性を探っています。NILは、

EUVリソグラフィと比較して、材料タイプに対する柔軟性とコスト効率が際立ってお
り、AI駆動の設計手法が複雑なナノ構造の製造能力をさらに高めると強調されていま
す。

公開日 2025年08月11日  Compound Semiconductor News  イギリス



詳細

背景：半導体製造の多角化と新たなニーズ

現代の半導体産業は、従来のマイクロプロセッサやメモリチップの製造だけでなく、拡
張現実（AR）、先進3Dセンシング、高速データ通信、そしてバイオテクノロジーとい
った、多様なアプリケーション分野へと拡大しています。これらの新しい分野では、シ
リコンベースの従来のCMOSプロセスでは困難な、特定の材料特性や三次元構造、ある
いは超微細パターンが求められます。このような背景から、多様な材料に対応し、コス
ト効率に優れた製造技術としてナノインプリントリソグラフィ（NIL）が注目されてい
ます。

主要内容：NILによる多様な半導体デバイスへの応用

Compound Semiconductor Newsの記事は、ナノインプリントリソグラフィ（NIL）が、
従来のシリコンMOSFETの製造に留まらず、広範な半導体デバイスにおけるその潜在能
力を最大限に引き出す可能性を探っています。NILは、物理的なパターン転写メカニズ
ムにより、光の回折限界に制約されず、極めて微細なナノ構造を形成できるという特性
を持っています。

記事で強調されているNILの主な応用分野と利点は以下の通りです。

拡張現実（AR）デバイス：ARグラスやヘッドアップディスプレイに必要な、軽量で
高効率な回折光学素子（DOEs）やメタサーフェスの製造に適しています。NILは、こ
れらの光学素子を構成する微細な構造を、高いスループットとコスト効率で形成でき
ます。

先進3Dセンシング：スマートフォンや自動運転車に搭載されるToF（Time-of-
Flight）センサーや構造光センサーなどの3Dセンシングデバイスにおいて、VCSEL

（垂直共振器面発光レーザー）アレイや光回折格子といった光部品の精密なナノ加工
にNILが活用されます。

高帯域幅データ通信/通信：シリコンフォトニクスやIII-V族化合物半導体を用いた光
集積回路（PICs）の製造において、ナノスケールの導波路、共振器、結合器などを高
精度に形成するのにNILが貢献します。これは、データセンターや5G/6G通信におけ
る高速・大容量化に不可欠です。



バイオテクノロジーデバイス：DNAシーケンシングチップ、微小流体デバイス、細
胞培養用足場材など、生体分子の操作や検出に用いられるバイオチップの微細構造形
成にもNILが応用されます。NILは、生体適合性材料への直接パターニングが可能で
す。

材料の柔軟性とコスト効率：NILは、シリコンだけでなく、化合物半導体、ポリマ
ー、ガラスなど、多様な材料に対応できる柔軟性を持っています。また、EUVリソグ
ラフィに比べて装置コストと運用コストが大幅に低いため、新しい技術の実用化を加
速します。

AI駆動設計手法：人工知能（AI）を活用した設計自動化ツールが、NILによる複雑な
ナノ構造の設計と最適化をさらに加速させ、製造能力を向上させると指摘されていま
す。

影響と展望：ナノインプリントが拓く多様な高機能デバイス市場

ナノインプリントリソグラフィの幅広い応用可能性は、高機能デバイス市場に大きな影
響を与えるでしょう。特にAR、3Dセンシング、高速通信、バイオテクノロジーといっ
た成長分野において、NILは、従来の技術では実現が難しかった高精度かつコスト効率
の良い製造ソリューションを提供します。これにより、これらの分野における製品の小
型化、高性能化、低価格化が進み、市場の拡大を促進します。

NILが持つ材料多様性、スケーラビリティ、そしてAIとの融合は、技術革新のサイクル
を加速させ、これまで想像もできなかった新しいデバイスの創出を可能にするでしょ
う。これは、半導体産業が新たな価値創造のフロンティアへと進む上で、NILが中心的
な役割を果たすことを示唆しています。国際的な製造業がこの技術に注目する中、NIL

のさらなる進化が、未来のデジタル社会を形作る鍵となることが期待されます。

元記事:

https://compoundsemiconductor.net/article/122291/Unleashing_the_potential_of_nanoimprint_lithography
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